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편광 자외선 조사공정을 포함하는 광학필름의 제조방법에 있어서, 양호한 광학특성 및 막강도를 나타내는 광학필

름을 높은 생산성으로 제조가능한 방법을 제공한다.

하기 공정(1)~(3):

(1) 배향막의 표면에 중합성 액정 화합물 및 2색성 중합 개시제를 함유하는 중합성 조성물로 이루어진 층을 형성

하는 공정,

(2) 상기 층 중의 중합성 액정 화합물의 분자를 제 1 배향상태로 하는 공정,

(3) 상기 층에 편광 자외선을 조사하여 상기 중합성 액정 화합물의 중합을 진행시킴과 아울러, 상기 중합성 액정

화합물의 분자를 제 2 배향상태로 고정하여 광학 이방성층을 형성하는 공정을 (1)~(3)의 순서로 포함하는 광학필

름의 제조방법으로서, 상기 편광 자외선의 단위면적당 조사량(J/㎠) 중 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이

차지하는 비율이 15% 이하인 것을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법이다.

대표도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

하기 공정(1)~(3):

(1) 배향막의 표면에 중합성 액정 화합물 및 2색성 중합 개시제를 함유하는 중합성 조성물로 이루어진 층을 형

성하는 공정; 

(2) 상기 층 중의 중합성 액정 화합물의 분자를 제 1 배향상태로 하는 공정; 

(3) 상기 층에 편광 자외선을 조사하여 상기 중합성 액정 화합물의 중합을 진행시킴과 아울러, 상기 중합성 액

정 화합물의 분자를 제 2 배향상태로 고정하여 광학 이방성층을 형성하는 공정을 (1)~(3)의 순서로 포함하는 광

학필름의 제조방법으로서: 

상기 편광 자외선의 단위면적당 조사량(J/㎠) 중 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이 차지하는 비율이 15%

이하인 것을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 공정(3)에 있어서의 상기 층의 막면온도가 (Tiso -50)~Tiso℃(단, Tiso(℃)은 상기 중합성

액정 화합물의 등방 상전이온도)인 것을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법.

청구항 3 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 공정(3)에 있어서 조사량 20OmJ/㎠~2J/㎠으로 편광 자외선을 조사하는 것

을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법.

청구항 4 

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 공정(3) 후에, 비편광의 자외선을 조사하는 것을 포함하는

것을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법.

청구항 5 

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 기재된 광학필름의 제조방법에 사용되는 편광 자외선 노광장치로서: 자

외선 광원, 상기 광원으로부터의 비편광 자외선을 편광 자외선으로 하는 수단,  및 소광비가 1 이상 8 이하인

편광 자외선이 피조사체에 조사되는 것을 방해하는 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 편광 자외선 노광장치.

청구항 6 

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 기재된 광학필름의 제조방법으로 제조된 것을 특징으로 하는 광학필름.

청구항 7 

편광막과, 제 6 항에 기재된 광학필름을 갖는 것을 특징으로 하는 편광판.

청구항 8 

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 기재된 방법으로 제조된 광학필름과, 상기 광학필름의 광학 이방성층 상

에 감광성 수지층을 갖는 것을 특징으로 하는 전사재료.

청구항 9 

제 7 항에 기재된 편광판, 제 6 항에 기재된 광학필름, 및 제 8 항에 기재된 전사재료로부터 전사된 광학 이방

성층 중 하나 이상을 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10 

제 8 항에 기재된 전사재료로부터 전사된 광학 이방성층을 액정셀 내에 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
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청구항 11 

제 9 항 또는 제 10 항에 있어서, 표시 모드가 VA 모드인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 광학필름의 제조방법 및 이것에 유용한 편광 자외선 노광장치에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 상기<1>

방법을 이용해서 제조되는 광학필름, 및  이것을 사용한 편광판, 전사재료 및  액정표시장치에 관한 것이다.

특히, 수직 배향형 액정표시 소자의 시야각 특성의 개선에 기여하는 광학필름, 및 시야각 특성이 개선된 액정표

시장치에 관한 것이다.

    배 경 기 술

워드  프로세서나 노트북,  PC용  모니터 등의 OA  기기,  휴대폰 단말,  텔레비젼 등에 사용되는 표시장치로는<2>

CRT(Cathode Ray Tube)가 지금까지 주로 사용되어 왔었다. 최근, 액정표시장치(LCD)가 박형, 경량, 또한 소비전

력이 작기 때문에 CRT 대신에 널리 사용되어 오고 있다. 일반적으로는, 액정표시장치는 액정셀 및 편광판을 구

비하고, 편광판은 보호필름과 편광막으로 이루어진다. 편광판은 일반적으로는 폴리비닐알콜 필름으로 이루어진

편광막을 요오드로 염색하고, 연신을 행하고, 그 양면을 보호필름으로 적층하여 얻어진다. 예컨대, 투과형 액정

표시장치에서는 그 편광판을 액정셀의 양측에 부착하고, 1장 이상의 광학보상필름을 더 배치하는 경우도 있다.

한편, 반사형 액정표시장치에서는 반사판, 액정셀, 1장 이상의 광학보상필름, 및 편광판의 순서로 배치하는 것

이 일반적이다. 액정셀은 액정분자, 이것을 봉입하기 위한 2장의 기판 및 액정분자에 전압을 가하기 위한 전극

층으로 이루어진다. 액정셀은 액정분자의 배향상태의 차이에 의해, ON, OFF 표시를 행하고, 투과형, 반사형 및

반투과형 모두 적용할 수 있고, TN(Twisted Nematic), IPS(In-Plane Switching), OCB(Optically Compensatory

Bend), VA(Vertically Aligned), ECB(Electrically Controlled Birefringence), STN(Super Twisted Nematic)

과 같은 표시 모드가 제안되어 있다. 그러나, 종래의 액정표시장치에서 표시할 수 있는 색이나 콘트라스트는

LCD를 볼 때의 각도에 따라서 변화한다. 그 때문에, 액정표시장치의 시야각 특성은 CRT의 성능을 뛰어 넘기 까

지에는 이르러 있지 않다.

최근, 이 시야각 특성을 개량하는 LCD의 방식으로서, 음의 유전율 이방성을 갖는 네마틱 액정분자를 사용하여,<3>

전압을 인가하지 않은 상태에서 액정분자의 장축을 기판에 대략 수직한 방향으로 배향시키고 이것을 박막 트랜

지스터에 의해 구동하는 수직 배향 네마틱형 액정표시장치(이하, VA 모드라고 함)가 제안되어 있다(특허문헌 1

참조). 이 VA 모드는 정면으로부터 본 경우의 표시특성이 TN 모드와 마찬가지로 우수할 뿐만 아니라, 시야각 보

상용 위상차판(광학보상필름)을 적용함으로써 넓은 시야각 특성을 발현한다. VA 모드에서는 필름면에 수직한 방

향으로 광학축을 갖는 음의 1축성 위상차판(음의 c-plate)을 사용함으로써 보다 넓은 시야각 특성을 얻을 수 있

고, 이 LCD에 면내의 리타데이션 치가 50nm인 정의 굴절율 이방성을 갖는 1축 배향성 위상차판(양의 a-plate)을

더 사용함으로써, 보다 넓은 시야각 특성을 실현할 수 있는 것도 알려져 있다(비특허문헌 1 참조).

그러나, 이러한 위상차판의 매수를 늘리면 생산 비용이 상승하여 버린다. 또한, 다수의 필름을 서로 접합시키기<4>

때문에 수율 저하를 야기하기 쉬울 뿐만 아니라, 접합각도의 어긋남에 의해 표시 품위의 저하도 야기하기 쉽다.

또한, 복수의 필름을 사용하기 때문에 두께가 증가하여 표시장치의 박형화에 불리하게 되는 경우도 있다. 

또한, 통상 양의 a-plate에는 연신필름이 사용되지만, 연속 반송공정에 있어서의 종연신필름을 사용하는 경우,<5>

a-plate의 지상축이 필름의 반송(MD)방향으로 된다. 그런데, VA 모드의 시야각 보상에서는 편광판의 흡수축인

MD방향에 대하여 a-plate의 지상축을 직교시켜야만 하기 때문에, 롤·투·롤로의 접합이 불가능하여 비용이 현

저하게 상승한다. 이것을 해결하는 방법으로서 MD와 직교하는 방향(TD방향)으로 연신하는 소위 횡연신필름을 사

용하는 것이 열거되지만, 횡연신필름에는 보잉이라고 불리는 지상축의 비뚤어짐이 발생하기 쉬워서, 수율이 증

가하지 않기 때문에 비용이 상승한다. 또한, 연신필름의 적층에는 점착층을 사용하기 때문에, 온도, 습도변화에

의해 점착층이 수축하여 필름간의 박리나 휘어짐이라는 불량이 발생하는 경우도 있다. 이것들을 개선하는 방법

으로서, 로드형상 액정을 도포해서 a-plate를 제조하는 방법이 알려져 있다(특허문헌 2 참조).

또한, 최근 c-plate와 a-plate의 조합을 대신하여, 2축성 위상차판을 사용하는 방법이 제안되었다(비특허문헌<6>
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2).  2축성  위상차판을 사용함으로써, 콘트라스트시야각 뿐만  아니라  색미도  개선할  수  있게  되는  장점이

있지만, 통상 2축성 위상차판을 제조하는 데에 사용되는 2축 연신은 횡연신과 마찬가지로 필름의 전영역에 걸쳐

서 균일한 축 제어가 어려워 수율이 상승하지 않기 때문에 비용이 상승한다.

그래서, 특수한 코레스테릭 액정에 편광 자외선을 조사하는 방법(특허문헌 3)이나, 특수한 원반형상 액정에 편<7>

광 자외선을 조사하는 방법(특허문헌 4)에 의해, 연신을 사용하지 않고 2축성 위상차판을 제조하는 방법이 제안

되었다. 이 방법에 의해 연신에 기인하는 여러가지의 문제를 해결할 수 있다.

그런데, 편광 자외선 조사를 행하기 위해서는 380nm 이하의 자외선 영역에서 편광분리 특성이 있는 편광필터를<8>

사용할 필요가 있지만, 편광필터의 원리적인 문제로부터 적어도 반정도의 편광성분은 사용할 수 없기 때문에,

비편광 조사와 비교하면 조사량은 작아진다. 높은 생산성을 유지하기 위해서는 반송속도를 빠르게 할 필요가 있

지만, 반송속도를 빠르게 하면 그것에 반비례하여 편광 자외선의 조사량은 작아져 버린다.

상기 2축 위상차판 등을 제조할 때에 이용하는 편광 자외선의 조사량이 작으면, 경화후의 막의 강도가 부족하게<9>

되거나, 또한 경화시에 액정의 분자배향을 수반하는 경우에는 분자배향에도 영향을 미쳐서, 그 결과 제조되는

광학필름 등의 광학특성에도 영향을 미친다.

편광 광조사에 의한 액정배향 방법에 대해서, 특허문헌 5에는 광을 부분적으로 평행화 또는 편광하는 수단이 구<10>

체적으로 기재되어 있다. 또한, 특허문헌 6에는 와이어 그리드 편광소자를 이용해서 광의 이용효율을 높인 편광

광 조사장치에 대해서 기재되어 있다. 그러나, 광학 이방성층을 형성할 때에 행하는 편광 자외선의 조사가 층중

의 액정분자의 배열 및 층의 경화의 쌍방에 관계가 있는 경우, 소망의 광학특성과 막강도를 얻기 위해서는 막두

께 방향으로 균일하게, 또 충분하게 액정배열 및 경화를 진행시킬 필요가 있다.

(특허문헌 1) 일본 특허공개 평2-176625호 공보<11>

(특허문헌 2) 일본 특허공개 2000-304930호 공보 <12>

(특허문헌 3) EP1389199 A1 <13>

(특허문헌 4) 일본 특허공개 2002-6138호 공보<14>

(특허문헌 5) 일본 특허공표 2001-512850호 공보 <15>

(특허문헌 6) 일본 특허공개 2004-144884호 공보<16>

(비특허문헌 1) SID 97 DIGEST 845쪽~848쪽<17>

(비특허문헌 2) SID 2003 DIGEST 1208쪽~l211쪽<18>

    발명의 내용

본 발명은 편광 자외선 조사공정을 포함하는 광학필름의 제조방법에 있어서, 양호한 광학특성 및 막강도를 나타<19>

내는 광학필름을 높은 생산성으로 제조가능한 방법, 및 상기 방법에 유용한 편광 자외선 노광장치를 제공하는

것을 과제로 한다.

또한, 본 발명은 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치의 시야각 특성의 개선에 기여하는 광학필름을 연<20>

속적으로 결함없이 또는 적게, 또한 안정적으로 제조가능한 방법을 제공하는 것을 과제로 한다.

또한, 본 발명은 이러한 광학필름을 구비하고, 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치의 일부재로서 사용<21>

가능한 편광판, 및 액정셀 내에 광학 이방성층을 간이하게 형성가능하게 하는 전사재료를 제공하는 것을 과제로

한다.

또한, 본 발명은 액정셀이 정확하게 광학적으로 보상되고, 또 박층화가 가능한 시야각 특성이 양호한 액정표시<22>

장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치를 제공하는 것을 과제로 한다.

[1] 하기 공정(1)~(3): <23>

(1) 배향막의 표면에, 중합성 액정 화합물 및 2색성 중합 개시제를 함유하는 중합성 조성물로 이루어진 층을 형<24>

성하는 공정, 

(2) 상기 층중의 중합성 액정 화합물의 분자를 제 1 배향상태로 하는 공정,<25>

(3) 상기 층에 편광 자외선을 조사하여 상기 중합성 액정 화합물의 중합을 진행시킴과 아울러, 상기 중합성 액<26>
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정 화합물의 분자를 제 2 배향상태로 고정하여 광학 이방성층을 형성하는 공정을 (1)~(3)의 순서로 포함하는 광

학필름의 제조방법으로서, 

상기 편광 자외선의 단위면적당 조사량(J/㎠) 중 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이 차지하는 비율이 15%<27>

이하인 것을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법.

[2] 공정(3)에 있어서의 상기 층의 막면온도가 (Tiso-50)~Tiso℃(단, Tiso(℃)은 상기 중합성 액정 화합물의 등방<28>

상전이온도)인 [1]의 방법

[3] 공정(3)에 있어서, 조사량 20OmJ/㎠~2J/㎠으로 편광 자외선을 조사하는 [1] 또는 [2]의 방법.<29>

[4] 공정(3) 후에, 비편광의 자외선을 조사하는 것을 포함하는 [1]~[3] 중 어느 하나의 방법.<30>

[5] [1]~[4]중 어느 하나의 광학필름의 제조방법에 사용되는 편광 자외선 노광장치로서, 자외선 광원, 상기 광<31>

원으로부터의 비편광 자외선을 편광 자외선으로 하는 기구, 및 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이 피조사

체에 조사되는 것을 방해하는 기구를 구비한 편광 자외선 노광장치.

[6] [1]~[4] 중 어느 하나의 방법으로 제조된 광학필름.<32>

[7] 편광막과, [6]의 광학필름을 구비한 편광판.<33>

[8] [1]~[4] 중 어느 하나의 방법으로 제조된 광학필름과, 상기 광학필름의 광학 이방성층 상에 감광성 수지층<34>

을 구비한 전사재료.

[9] [7]의 편광판, [6]의 광학필름, 및 [8]의 전사재료로부터 전사된 광학 이방성층 중 적어도 하나를 구비한<35>

액정표시장치.

[10] [8]의 전사재료로부터 전사된 광학 이방성층을 액정셀 내에 구비한 액정표시장치.<36>

[11] 표시 모드가 VA 모드인 [9] 또는 [10]의 액정표시장치.<37>

본 발명에 의하면, 편광 자외선 조사공정을 포함하는 광학필름의 제조방법에 있어서, 양호한 광학특성 및 막강<38>

도를 나타내는 광학필름을 높은 생산성으로 제조가능한 방법을 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치의 시야각 특성의 개선에 기여하는 광학필<39>

름을 연속적으로 결함없이 또는 적게, 또한 안정적으로 제조가능한 방법을 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 이러한 광학필름을 갖고, 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치의 일부재로서<40>

사용가능한 편광판, 및 액정셀 내에 광학 이방성층을 간이하게 형성 가능하게 하는 전사재료를 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 액정셀이 정확하게 광학적으로 보상되고, 또 박층화가 가능한, 시야각 특성이 양호한<41>

액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치를 제공할 수 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하에 있어서, 본 발명에 대해서 상세하게 설명한다. 이하에 기재하는 구성 요건의 설명은 본 발명의 대표적인<42>

실시형태에 기초하여 되어 있지만, 본 발명은 이러한 실시형태에 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 있

어서 「~」을 이용하여 나타내는 수치범위는 「~」의 전후에 기재되는 수치를 하한치 및 상한치로서 포함하는

범위를 의미한다.

또한, 본 발명에 있어서, Re, Rth는 각각 파장 λ에 있어서의 정면 리타데이션 및 두께 방향의 리타데이션을 나<43>

타낸다. Re는 KOBRA 21ADH(Oji Scientific Instruments 제품)에 있어서 파장 λnm의 광을 필름 법선방향으로

입사시켜서 측정한다. Rth는 상기 Re, 면내의 지상축(KOBRA 21ADH에 의해 판단됨)을 경사축(회전축)으로 하여

필름 법선방향에 대해서 각도를 변경하여, 경사진 방향으로부터 파장 λnm의 광을 입사시켜서 측정한 복수의 리

타데이션 치를 기초로 KOBRA 21ADH를 산출한다.

본 명세서에 있어서, 각도에 대해서 「실질적으로」이란, 엄밀한 각도와의 오차가 ±5°미만의 범위내인 것을<44>

의미한다. 또한, 엄밀한 각도와의 오차는 4°미만인 것이 바람직하고, 3°미만인 것이 보다 바람직하다. 리타데

이션에 대해서 「실질적으로」이란, 리타데이션이 ±5% 이내의 차이인 것을 의미한다. 또한, Re가 0이 아닌 것

이란 Re가 5nm 이상인 것을 의미한다. 또한, 굴절율의 측정파장은 특별한 기술이 없는 한, 가시광선 영역의 임

의의 파장을 가리킨다. 또한, 본 명세서에 있어서, 「가시광선」이란 파장이 400~700nm인 광을 말한다.
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[광학필름의 제조방법]<45>

본 발명은 하기 공정(1)~(3):<46>

(1) 배향막의 표면에, 중합성 액정 화합물 및 2색성 중합 개시제를 함유하는 중합성 조성물로 이루어진 층을 형<47>

성하는 공정, 

(2) 상기 층 중의 중합성 액정 화합물의 분자를 제 1 배향상태로 하는 공정,<48>

(3) 상기 층에 편광 자외선을 조사하여 상기 중합성 액정 화합물의 중합을 진행시킴과 아울러, 상기 중합성 액<49>

정 화합물의 분자를 제 2 배향상태로 고정하여 광학 이방성층을 형성하는 공정을 이 순서로 포함하는 광학필름

의 제조방법으로서, 상기 편광 자외선의 단위면적당 조사량(J/㎠) 중 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이

차지하는 비율이 15% 이하인 것을 특징으로 하는 광학필름의 제조방법에 관한 것이다. 이하, 본 발명의 방법에

대해서 실시예를 들어서 설명한다.

[공정 (1)]<50>

상기 공정(1)에서는 배향막의 표면에, 중합성 액정 화합물 및 2색성 중합 개시제를 함유하는 중합성 조성물로<51>

이루어진 층을 형성한다. 이 층은, 예컨대 중합성 액정 화합물, 2색성 중합 개시제 및 소망에 따라 첨가제를 함

유하는 중합성 조성물을 도포액으로서 조제하고, 이 도포액을 배향막 표면에 도포·건조함으로써 형성할 수 있

다.

상기 중합성 액정 화합물에 대해서는 특별히 제한하지 않는다. 일반적으로, 액정 화합물은 그 형상으로부터, 로<52>

드형상 타입과 원반형상 타입으로 분류할 수 있다. 또한, 각각 저분자와 고분자 타입이 있다. 고분자란, 일반적

으로 중합도가 100이상의 것을 가르킨다(POLYMER PHYSICS·PHASE TRANSITION DYNAMICS, 도이 마사오 저, 2쪽,

이와나미 쇼텐, 1992). 본 발명에서는 모든 액정 화합물을 사용할 수도 있지만, 편광 자외선의 조사에 의해 면

내 리타데이션을 효율적으로 발생시킬 수 있다는 관점에서, 로드형상 액정 화합물을 사용하는 것이 바람직하다.

2종 이상의 로드형상 액정 화합물, 2종 이상의 원반형상 액정 화합물, 또는 로드형상 액정 화합물과 원반형상

액정 화합물의 혼합물을 사용해도 좋다. 본 발명에서는 반응성기를 갖는 중합성 액정 화합물을 사용하지만, 반

응성기를 1 분자 중에 2개 이상 갖는 중합성 액정 화합물을 적어도 1종 사용하는 것이 바람직하다. 반응성기를

갖지 않은 액정 화합물을 병용해도 좋다. 액정성 화합물은 2종류 이상의 혼합물이어도 좋고, 이 경우 적어도 1

개가 2개 이상의 반응성기를 갖고 있는 것이 바람직하다.

상기 원반형상 액정 화합물은 특별히 한정되지 않고, 공지의 것을 사용할 수 있다. 로드형상 액정 화합물로는<53>

아조메틴류, 아족시류, 시아노비페닐류, 시아노페닐스에스테르류, 안식향산 에스테르류, 시클로헥산카르복실산

페닐에스테르류, 시아노페닐시클로헥산류, 시아노 치환 페닐피리미딘류, 알콕시 치환 페닐피리미딘류, 페닐디옥

산류, 톨란류 및 알케닐시클로헥실 벤조니트릴류가 바람직하게 사용된다. 중합성 액정 화합물은 저분자 액정 화

합물이어도, 고분자액정 화합물이라도 좋다. 상기 중합성 액정 화합물의 바람직한 예로서, 하기 일반식(I)으로

표시되는 로드형상 액정 화합물을 열거할 수 있다.

일반식(1): Q
1
-L

1
-A

1
-L

3
-M-L

4
-A

2
-L

2
-Q

2
<54>

식중, Q
1
 및 Q

2
는 각각 독립적으로 반응성기이며, L

1
, L

2
, L

3
 및 L

4
는 각각 독립적으로 단일결합 또는 2가의 연결<55>

기를 나타내지만, L
3
 및 L

4 
중 적어도 하나는 -O-CO-O-인 것이 바람직하다. A

1
 및 A

2
는 각각 독립적으로 탄소원자

수 2~20개의 스페이서기를 나타낸다. M은 메조겐기를 나타낸다.

식중, Q
1
 및 Q

2
가 각각 나타내는 반응성기는 중합반응성이며, 부가중합(개환중합을 포함함) 반응성 또는 축합중<56>

합 반응성인 것이 바람직하다. 이하에 반응성기의 예를 나타낸다.
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<57>

L
1
, L

2
, L

3
 및 L

4
으로 표시되는 2가의 연결기로는 -O-, -S-, -CO-, -NR

2
-, -CO-O-, -O-CO-O-, -CO-NR

2
-, -NR

2
-<58>

CO-, -O-CO-, -O-CO-NR
2
-, -NR

2
-CO-O-, 및 NR

2
-CO-NR

2
-로 이루어진 군에서 선택되는 2가의 연결기인 것이 바람직

하다. 상기 R
2
는 탄소원자수가 1~7개인 알킬기 또는 수소원자이다. 이 경우, L

3
 및 L

4 
중 적어도 하나는 -O-CO-

O-(카보네이트기)이다. 상기 식(I)중, Q
1
-L

1
 및 Q

2
-L

2
-은 CH2=CH-CO-O-, CH2=C(CH3)-CO-O- 및 CH2=C(Cl)-CO-O-CO-

O-이 바람직하고, CH2=CH-CO-O-이 보다 바람직하다.

A
1
 및 A

2
는 탄소원자수 2~20개를 갖는 스페이서기를 나타낸다. 탄소원자수 2~12개의 지방족기가 바람직하고, 특<59>

히 알킬렌기가 바람직하다. 스페이서기는 쇄상인 것이 바람직하고, 인접하여 있지 않은 산소원자 또는 황원자를

포함하고 있어도 좋다. 또한, 상기 스페이서기는 치환기를 갖고 있어도 좋고, 할로겐 원자(불소, 염소, 브롬),

시아노기, 메틸기, 에틸기가 치환되어 있어도 좋다. 

M으로 표시되는 메조겐기로는 모든 공지의 메조겐기가 열거된다. 특히 하기 일반식(II)으로 표시되는 기가 바람<60>

직하다.

일반식(II): -(-W
1
-L

5
)n-W

2
-<61>

식중, W
1
 및 W

2
는 각각 독립적으로 2가의 환상 지방족기, 2가의 방향족기 또는 2가의 헤테로환기를 나타내고, L

5
<62>

는 단일결합 또는 연결기를 나타내고, 연결기의 구체예로는 상기 식(1)중 L
1
~L

4
로 표시되는 기의 구체예, -CH2-

O-, 및 O-CH2-가 열거된다. n은 1, 2 또는 3을 나타낸다.

W
1
 및 W

2
로는 1,4-시클로헥산디일, 1,4-페닐렌, 피리미딘-2,5-디일, 피리미딘-2,5-디일, 1,3,4-티아디아졸-2,5-<63>

디일, 1,3,4-옥사디아졸-2,5-디일, 나프탈렌-2,6-디일, 나프탈렌-1,5-디일, 티오펜-2,5-디일, 피리다진-3,6-디

일이 열거된다. 1,4-시클로헥산디일의 경우, 트랜스체 및 시스체의 구조 이성체가 있지만, 어느 이성체라도 좋

고, 임의의 비율의 혼합물이어도 좋다. 트랜스체인 것이 보다 바람직하다. W
1
 및 W

2
는 각각 치환기를 갖고 있어

도 좋다. 치환기로는 할로겐 원자(불소, 염소, 브롬, 요오드), 시아노기, 탄소원자수 1~10개의 알킬기(메틸기,

에틸기, 프로필기 등), 탄소원자수 1~10개의 알콕시기(메톡시기, 에톡시기 등), 탄소원자수 1~10개의 아실기(포

르밀기, 아세틸기 등), 탄소원자수 1~10개의 알콕시카르보닐기(메톡시카르보닐기, 에톡시카르보닐기 등), 탄소

원자수 1~10개의 아실옥시기(아세틸옥시기, 프로피오닐옥시기 등), 니트로기, 트리플루오로메틸기, 디플루오로

메틸기 등이 열거된다. 
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상기 일반식(II)으로 표시되는 메조겐기의 기본골격의 바람직한 예를 이하에 예시한다. 이들에 상기 치환기가<64>

치환되어 있어도 좋다.

<65>

이하에, 상기 일반식(I)으로 표시되는 화합물의 예를 나타내지만, 상기 중합성 액정 화합물의 예는 이것들에 한<66>

정되는 것은 아니다. 또한, 일반식(I)으로 표시되는 화합물은 일본 특허공표 평11-513019호 공보에 기재된 방법

으로 합성할 수 있다.
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<67>

- 9 -

공개특허 10-2008-0018853



<68>
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<69>

상기 공정(1)에 사용되는 2색성 중합 개시제란, 광중합 개시제 중 어느 광의 편광 방향에 대해서 흡수 선택성을<70>

갖고,  그  편광에  의해  여기되어서 프리라디칼을 발생시키는 것을  말한다.  그  상세  및  구체예에 대해서는

WO03/05411 A1에 기재되어 있다. 또한, 상기 2색성 광중합 개시제와 함께, 종래의 중합성 개시제, 예컨대 α-카

르보닐화합물(미국특허 제2367661호, 동 2367670호의 각 명세서 기재), 아실로인에테르(미국특허 제2448828호

명세서 기재), α-탄화수소 치환 방향족 아실로인 화합물(미국특허 제2722512호 명세서 기재), 다핵 퀴논 화합

물(미국특허 제3046127호, 동 2951758호의 각 명세서 기재), 트리아릴이미다졸 다이머와 P-아미노페닐케톤의 조

합(미국특허 제3549367호 명세서 기재), 아크리딘 및 페나진 화합물(일본 특허공개  소60-105667호 공보, 미국

특허 제4239850호 명세서 기재) 및 옥사디아졸 화합물(미국특허 제4212970호 명세서 기재)을 사용해도 좋다.

상기 공정(1)에 사용되는 중합성 조성물에는 상기 중합성 액정 화합물 및 2색성 중합 개시제 이외에, 첨가제를<71>

함유시켜도 좋다. 첨가제의 일례로서, 상기 (2)의 공정에 있어서, 중합성 액정 화합물의 분자를 제 1 배향상태

로 하는 것을 촉진하는 제가 열거된다. 예컨대, 상기 (2)의 공정에서, 상기 중합성 액정 화합물의 분자를 수평

배향시키는 형태에서는 첨가제로서 하기의 수평 배향제를 첨가하는 것이 바람직하다.

상기 중합성 조성물 중에, 하기 일반식(1)~(3)으로 표시되는 화합물(수평 배향제) 중 적어도 1종을 함유시키고,<72>

이러한 화합물의 존재 하에서 액정성 화합물의 분자를 배향시킴으로써, 상기 분자를 실질적으로 수평 배향시킬

수 있다. 또한, 본 발명에서 「수평 배향」이란 로드형상 액정의 경우 분자 장축과 투명 지지체의 수평면이 평

행한 것을 말하고, 원반형상 액정의 경우 원반형상 액정성 화합물의 코어의 원반면과 투명 지지체의 수평면이

평행한 것을 말하지만, 엄밀하게 평행한 것을 요구하나 것은 아니고 본 명세서에서는 수평면과 이루는 경사각이

10도 미만인 배향을 의미하는 것으로 한다. 경사각은 0~5도인 것이 바람직하고, 0~3도인 것이 보다 바람직하고,

0~2도인 것이 더욱 바람직하고, 0~1도인 것이 가장 바람직하다.
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<73>

식중, R
1
, R

2
 및 R

3
은 각각 독립적으로 수소원자 또는 치환기를 나타내고, X

1
, X

2
 및 X

3
은 단일결합 또는 2가의<74>

연결기를 나타낸다. R
1
~R

3
으로 각각 표시되는 치환기로는 바람직하게는 치환 또는 무치환의 알킬기(그 중에서도,

무치환의 알킬기 또는 불소치환 알킬기가 보다 바람직함), 아릴기(그 중에서도 불소치환 알킬기를 갖는 아릴기

가 바람직함), 치환 또는 무치환의 아미노기, 알콕시기, 알킬티오 기, 할로겐 원자이다. X
1
 , X

2
 및 X

3
으로 각각

표시되는 2가의 연결기는 알킬렌기, 알케닐렌기, 2가의 방향족기, 2가의 헤테로환 잔기, -CO-, -NR
a
-(R

a
는 탄소

원자수가 1~5개인 알킬기 또는 수소원자), -O-, -S-, -SO-, -SO2- 및 그것들의 조합으로 이루어진 군에서 선택

되는 2가의 연결기인 것이 바람직하다. 2가의 연결기는 알킬렌기, 페닐렌기, -CO-, -NR
a
-, -O-, -S- 및 -SO2-로

이루어진 군에서 선택되는 2가의 연결기 또는 상기 군에서 선택되는 기를 적어도 2개 조합시킨 2가의 연결기인

것이 보다 바람직하다. 알킬렌기의 탄소원자수는 1~12개인 것이 바람직하다. 알케닐렌기의 탄소원자수는 2~12개

인 것이 바람직하다. 2가의 방향족기의 탄소원자수는 6~10개인 것이 바람직하다.

<75>

식중, R은 치환기를 나타내고, m은 0~5의 정수를 나타낸다. m이 2 이상의 정수를 나타내는 경우, 복수개의 R은<76>

동일하여도 또는 달라도 좋다. R로서 바람직한 치환기는 R
1
, R

2
, 및 R

3
으로 표시되는 치환기의 바람직한 범위로

서 열거한 것과 같다. m은 바람직하게는 1~3의 정수를 나타내고, 특히 바람직하게는 2 또는 3이다.

<77>

식중, R
4
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 및 R

9
는 각각 독립적으로 수소원자 또는 치환기를 나타낸다. R

4
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
 및 R

9
로<78>

각각 표시되는 치환기는 바람직하게는 일반식(I)에 있어서의 R
1
, R

2
 및 R

3
으로 표시되는 치환기의 바람직한 것으

로서 열거한 것이다. 

이들 수평 배향제의 구체예에 대해서는 일본 특허출원 2005-99248호 명세서에 기재된 구체예와 같고, 이들 화합<79>

물의 합성법도 상기 명세서에 기재되어 있다.

상기 중합성 조성물은 도포액으로서 조제하고, 상기 도포액을 배향막의 표면에 도포·건조함으로써, 상기 조성<80>

물로 이루어진 층을 형성해도 좋다. 상기 도포액의 조제에 사용하는 용매로는 유기용매가 바람직하게 사용된다.

유기용매의 예로는 아미드(예, N,N-디메틸포름아미드), 술폭시드(예, 디메틸술폭시드), 헤테로환 화합물(예, 피
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리딘),  탄화수소(예,  벤젠,  헥산),  알킬  할라이드(예,  클로로포름, 디클로로메탄), 에스테르(예,  아세트산

메틸, 아세트산 부틸), 케톤(예, 아세톤, 메틸에틸케톤, 메틸이소부틸케톤, 시클로헥사논), 에테르(예, 테트라

히드로푸란, 1,2-디메톡시에탄)이 포함된다. 알킬 할라이드 및 케톤이 바람직하다. 2종류 이상의 유기용매를 병

용해도 좋다. 도포액의 도포는, 예컨대 연속 반송공정을 이용하여 공지의 방법(예, 압출 코팅법, 다이렉트 그라

비아 코팅법, 리버스 그라비아 코팅법, 다이 코팅법)에 의해 실시할 수 있다. 상기 공정(1)에서는 2층 이상의

층을 동시에 형성해도 좋고, 이러한 경우에 이용 가능한 동시도포의 방법에 대해서는 미국특허 제2761791호, 동

2941898호, 동 3508947호, 동 3526528호의 각 명세서 및 하라자키 유지 저, 코팅 공학, 253쪽, 아사쿠라 쇼텐

(1973)에 기재되어 있다.

도포량에 대해서는 특별히 제한하지 않고, 최종적으로 형성되는 광학 이방성층의 바람직한 두께에 따라 결정할<81>

수 있다. 최종적으로 형성되는 상기 광학 이방성층의 두께는 일반적으로는 0.1~20㎛인 것이 바람직하고, 0.5~10

㎛인 것이 더욱 바람직하다.

상기 중합성 조성물 중에 있어서의 2색성 광중합 개시제의 함유량은 조성물의 전체 질량(도포액으로서 조제되었<82>

을 경우는 그 고형분의 전체 질량)에 대하여, 0.01~20질량%인 것이 바람직하고, 0.5~5질량%인 것이 더욱 바람직

하다. 또한, 상기 일반식(1)~(3)으로 표시되는 화합물을 첨가하는 경우에는 그 첨가량으로는 액정성 화합물 질

량의 0.01~20질량%인 것이 바람직하고, 0.01~10질량%인 것이 보다 바람직하고, 0.02~1질량%인 것이 특히 바람직

하다. 또, 상기 일반식(1)~(3)으로 표시되는 화합물은 단독으로 사용해도 좋고, 2종 이상을 병용해도 좋다.

상기 공정(1)에서 이용하는 배향막에 대해서는 특별히 제한하지 않는다. 그 바람직한 예로는 폴리머층의 표면을<83>

러빙처리해서 제조된  배향막,  무기  화합물의  사방증착에  의해  형성된  배향막,  및  마이크로그루브를 갖는

배향막, 또한 ω-트리코산산, 디옥타데실메틸암모늄 클로라이드 및 스테아릴산 메틸 등의 랑뮤아·브로젯트법

(Lanmuir-Blodgett; LB막)에 의해 형성되는 누적막, 또는 전장 또는 자장의 부여에 의해 유전체를 배향시킨 배

향막을 열거할 수 있다.

상기 배향막의 형성에는 폴리머를 사용하는 것이 바람직하다. 상기 폴리머의 예로는 폴리메틸메타크릴레이트,<84>

아크릴산/메타크릴산 공중합체, 스티렌/말레이미드 공중합체, 폴리비닐알콜, 폴리(N-메티롤아크릴아미드), 스티

렌/비닐톨루엔 공중합체, 클로로술폰화 폴리에틸렌, 니트로셀룰로오스, 폴리염화비닐, 염소화 폴리올레핀, 폴리

에스테르, 폴리이미드, 아세트산 비닐/염화비닐 공중합체, 에틸렌/아세트산비닐 공중합체, 카르복시메틸셀룰로

오스, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 및 폴리카보네이트 등의 폴리머가 포함된다. 또한 실란 커플링제 등의 화합물

을 이용해서 형성해도 좋다. 바람직한 폴리머의 예로는 폴리이미드, 폴리스티렌, 스티렌 유도체의 폴리머, 젤라

틴, 폴리비닐알콜 및 알킬기(탄소원자수 6개 이상이 바람직함)을 갖는 알킬 변성 폴리비닐알콜을 열거할 수 있

다.

이용 가능한 폴리머의 종류는 액정성 화합물의 배향(특히 평균 경사각)에 따라 결정할 수 있다. 예컨대, 상기<85>

(2)의 공정에서, 액정성 화합물을 수평으로 배향시키기 위해서는 배향막의 표면에너지를 저하시키지 않는 폴리

머(일반적인 배향용 폴리머)를 사용할 수 있다. 구체적인 폴리머의 종류에 대해서는 액정셀 또는 광학보상필름

에 대해서 여러 문헌에 기재되어 있다. 예컨대, 폴리비닐알콜 또는 변성 폴리비닐알콜, 폴리아크릴산 또는 폴리

아크릴산 에스테르와의 공중합체, 폴리비닐피롤리돈, 셀룰로오스 또는 변성 셀룰로오스 등이 바람직하게 사용된

다. 형성되는 광학 이방성층과의 밀착성을 개선할 목적에서, 중합성기를 갖는 폴리머를 사용하는 것도 바람직하

다. 중합성기는 측쇄에 중합성기를 갖는 반복 단위를 도입하거나, 또는 환상 기의 치환기로서 폴리머 중에 도입

할 수 있다. 계면에서 액정성 화합물과 화학결합을 형성하는 배향막을 사용하는 것이 보다 바람직하고, 이러한

배향막으로는 일본 특허공개  평9-152509호 공보에 기재되어 있고, 산 클로라이드나 KARENZ M0I(SHOWA DENKO

K.K.  제품)을 이용하여 측쇄에 아크릴기를 도입한 변성  폴리비닐알콜이 특히  바람직하다. 배향막의 두께는

0.01~5㎛인 것이 바람직하고, 0.05~2㎛인 것이 더욱 바람직하다. 

또한, 액정표시장치의 액정셀의 배향층으로서 널리 사용되고 있는 폴리이미드막(바람직하게는 불소원자 함유 폴<86>

리이미드)도 상기 배향막으로서 이용해도 좋다. 이것은 폴리아믹산(예컨대 HITACHI CHEMICAL CO., LTD. 제품의

LQ/LX 시리즈, NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 제품, SE 시리즈 등)을 지지체면에 도포하고, 100~300℃에서

0.5~1시간 소성한 후, 러빙함으로써 얻어진다. 또한, 상기 폴리머에 반응성기를 도입함으로써, 또는 상기 폴리

머를 이소시아네이트 화합물 및 에폭시 화합물 등의 가교제와 함께 사용하고, 이들 폴리머를 경화시킴으로써 얻

어지는 경화막을 상기 배향막으로서 이용해도 좋다.

상기 배향막은 상기 어느 하나의 폴리머를 함유하는 조성물을 도포액으로서 조제하고, 상기 도포액을 표면에 도<87>

포하여 폴리머층을 형성하고, 상기 폴리머층의 표면을 러빙처리해서 형성하는 것이 바람직하다. 배향막 형성용
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도포액은 측쇄에 반응성기를 갖는 고분자, 또는 반응성기를 갖는 모노머 또는 올리고머, 구체적으로는 측쇄에

반응성기를 갖는 변성 폴리비닐알콜을 포함하는 것이 바람직하다. 또한, 반응성기는 광학 이방성층의 형성에 사

용하는 중합성 액정 화합물이 갖는 반응성기와 직접 반응할 수 있는 것이 바람직하다. 배향막 중의 폴리머와 광

학 이방성층 중의 중합성 액정 화합물이 직접 가교반응함으로써, 완성된 필름의 강도(광학 이방성층과 배향막의

밀착성)이 개선된다.

상기 배향막 형성용 도포액은 딥 코트법, 에어나이프 코트법, 커튼 코트법, 롤러 코트법, 와이어바 코트법, 그<88>

라비아 코트법이나 압출 코트법(미국특허 제2681294호 명세서)에 의해 도포할 수 있다. 2층 이상의 층을 동시에

도포해도 좋다. 동시 도포방법에 대해서는 미국특허 제2761791호, 동 2941898호, 동 3508947호, 동 3526528호의

각 명세서 및 하라자키 유지 저, 코팅 공학, 253쪽, 아사쿠라 쇼텐(1973)에 기재되어 있다.

상기 러빙처리는 LCD의 액정배향 처리공정으로서 널리 채용되어 있는 처리 방법을 이용할 수 있다. 즉, 배향층<89>

의 표면을 종이나 거즈, 펠트, 고무 또는 나일론, 폴리에스테르 섬유 등을 이용하여 일정 방향으로 러빙함으로

써 배향을 얻는 방법을 사용할 수 있다. 일반적으로는, 길이 및 굵기가 균일한 섬유를 평균적으로 식모한 천 등

을 이용하여 수회 정도 러빙을 행함으로써 실시된다. 본 발명에서는 상기와 같이 롤형상의 지지체를 공급 반송

하면서, 배향막 형성용 용액을 표면에 도포 및 건조해서 폴리머층을 형성한 후, 연속 반송하면서 폴리머층을 러

빙처리하고, 배향막을 형성하는 것이 바람직하다.

또한, 배향막은 상기 폴리머 재료로 이루어진 것에 한정되지 않고, 상기한 바와 같이 무기 사방증착막 등이어도<90>

좋다. 무기 사방증착막의 증착 물질로는 SiO2를 대표로 하여, TiO2 , ZnO2 등의 금속 산화물, 또는 MgF2 등의 불

화물, 또한 Au, Al 등의 금속이 열거된다. 또한, 금속 산화물은 고유전율의 것이라면 사방증착 물질로서 사용할

수  있고,  상기에  한정되는  것은  아니다.  무기  사방증착막은  증착  장치를  이용하여  형성할  수  있다.

필름(지지체)을 고정하여 증착하거나, 또는 장척 필름을 이동시켜서 연속적으로 증착함으로써 무기 사방증착막

을 형성하여 배향막으로서 이용할 수 있다.

상기 (1)의  공정에서 이용되는 배향막은 플라스틱 필름 등으로 이루어진 지지체 상에 형성된 배향막이어도<91>

좋다. 롤형상으로 권취된 장척상 플라스틱 필름을 순차 공급하면서, 그 표면에 배향막을 연속적으로 형성해도

좋다. 지지체에 대해서는 특별히 제한하지 않고, 여러가지의 폴리머 필름을 이용할 수 있다. 액정표시장치의 광

학보상필름 등을 제조할 경우에는 가시광선에 대하여 광투과성인 것이나, 광학보상에 영향을 주지 않는 또는 광

학보상에 기여하는 광학특성이 요구된다. 셀룰로오스 아실레이트 필름을 사용하는 것이 바람직하다. 지지체로서

이용 가능한 셀룰로오스 아실레이트에 대해서는 후술한다. 또한, 후술하는 전사재료를 제조하는경우에는, 피전

사재료에 전사된 후에는 지지체는 박리하여 버리므로, 특히 그 재료에 대해서는 제한이 없다.

[공정(2)]<92>

다음에, 상기 공정(2)에서는 형성된 중합성 조성물로 이루어진 층(이하, 「중합성 조성물층」이라고 함) 중의<93>

중합성 액정 화합물의 분자를 제 1 배향상태로 한다. 상기 중합성 조성물의 도포액을 배향막 표면에 도포·건조

하는 과정에서 소망의 배향상태로 되는 경우에는 가열 등의 에너지의 공급은 필요없지만, 일반적으로는 상기 액

정 화합물의 전이온도에 따라서 가열 또는 냉각함으로써 소망의 제 1 배향상태로 한다. 상기 공정(2)에서, 중합

성 로드형상 액정 화합물의 분자를 호모지니어스 배향시키는 경우에는 일반적으로는 실온 이상으로 가열하여 배

향시킨다. 바람직한 온도범위는 상기 액정 화합물의 전이온도에 따라서 결정할 수 있다. 또한, 안정적인 배향상

태로 하기 위해서, 그 배향상태를 숙성시키는 것이 바람직하고, 그것을 위해서는 소정의 온도로 유지된 분위기

중에 어느 정도의 시간, 예컨대30초~5분 정도 방치하는 것이 바람직하다. 단, 숙성시간은 연속제조에 있어서는

반송시간, 및 숙성온도에 따라서, 바람직한 범위가 다르기 때문에, 그 제한은 없다.

[공정(3)]<94>

다음에, 상기 공정(3)에서, 상기 중합성 조성물로 이루어진 층에 편광 자외선을 조사하고, 상기 중합성 액정 화<95>

합물의 중합을 진행시킴과 아울러, 중합성 액정 화합물의 분자를 제 2 배향상태로 고정하여 광학 이방성층을 형

성한다. 상기 편광 자외선을 조사할 때의 단위면적당 조사량(J/㎠) 중 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이

차지하는 비율이 15% 이하인 조건에서 편광조사를 실시한다. 상기 공정(3)에서는 편광 자외선의 조사에 의해서

2색성 중합 개시제로부터 라디칼이 발생하여, 중합성 액정 화합물의 중합이 진행된다. 2색성 중합 개시제를 사

용하고 있으므로, 라디칼은 균일하게 발생하지 않고, 자외선의 편광방향에 대하여 소정 방향(일반적으로는 평행

한 방향)으로 우선적으로 발생하고, 라디칼이 우선적으로 발생한 장소에서 중합이 국소적으로 진행된다. 그 결

과, 액정분자의 배향상태는 제 1 배향상태로부터 적지 않게 변화된 제 2 배향상태로 되어 고정되어서 광학 이방
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성층이 형성된다. 광학 이방성층에는 용도(예컨대, VA 모드의 액정셀의 광학보상)에 요구되는 광학특성을 만족

하는 것, 및 그 후의 사용에 견디는 정도의 강도를 갖는 것이 필요한 한편, 높은 생산성으로 제조하기 위해서는

연속 생산에 있어서의 반송속도가 빨라질 수록, 즉 편광조사가 단시간일 수록 바람직하다. 본 발명에서는 상기

편광 자외선을 조사할 때의 단위면적당 조사량(J/㎠) 중 소광비가 1 이상 8 이하인 편광 자외선이 차지하는 비

율이 15% 이하의 조건에서 편광조사를 실시하고 있으므로, 양호한 생산성으로, 소망의 광학특성 및 강도를 나타

내는 광학 이방성층을 형성할 수 있다.

여기에서, 소광비란 측정 대상이 되는 평면 편광빔의 광로에, 그 편광축이 상기 빔의 면에 평행한 편광자가 위<96>

치하고, 이 편광자를 투과한 평면 편광빔의 파워와 그 편광축이 빔면에 수직한 편광자 위치하고, 이 편광자를

투과한  평면  편광빔의  파워의  비(광학기술용어사전 제3판,  코야나기  오사무  저,  OPTRONICS  Co.,  Ltd.)를

말한다. 일반적으로는 P편광과 S편광의 빔의 국소적 에너지 밀도 또는 빔 전체의 에너지 밀도를 적분함으로써

얻어지는 평균치를 의미하지만, 본 발명에 있어서는 P편광과 S편광의 에너지 밀도의 비를 의미하고, 또한 그 비

가 1 이상이 되는 것을 의미한다.

소광비는 자외선빔 면내에 있어서의 임의의 위치에 있어서 자외선을 편광시키는 편광자와 피조사면 사이, 바람<97>

직하게는 피조사면에서 가까운 바로 위이며, 편광자의 바로 아래에 편광자의 편광축과 평행 또는 수직한 투과축

을 가진 검광자를 배치하여, 각각에 있어서의 피조사면의 조도(W/㎠)의 비로 구할 수 있다.

도 1에, 본 발명의 방법에 이용가능한 편광 자외선 조사장치의 일례의 개략도를 나타낸다. 도 1(a)은 개략적인<98>

사시도이고, 또한 도 1(b)는 개략 단면도이다. 도 1에 나타내는 편광 자외선 조사장치는 로드형상의 램프(2),

램프(2)로부터의 광을 피조사면(7)의 방향으로 반사하는 반사경(1), 램프(2)로부터의 광의 방향을 조절하는 광

학부품(3), 조사 파장을 조정하는 파장선택 필터(4), 램프(2)로부터의 광의 편광성분을 분리하여 편광으로 하는

편광자(6), 그리고 불필요한 광을 차광하는 애퍼쳐(5)를 구비한다.

도 1에 나타내는 편광 자외선 조사장치는 상기 애퍼쳐(5)에 의해 소광비가 낮은 광을 차광하고, 단위면적당 조<99>

사량에 있어서의 소광비가 1 이상 8 이하인 광의 비율을 경감 가능하게 구성되어 있다. 도 1의 편광 자외선 조

사장치의 애퍼쳐(5)의 슬릿폭(8)을 90mm, 60mm, 40mm, 20mm 및 10mm롤 각각 조정했을 때의 반송방향에 대한 피

조사면(7)의 조도분포를 도 2에, 또한, 반송방향에 대한 소광비의 분포를 도 3에 각각 나타낸다. 반송방향에 대

한 광의 광학특성은 연속 생산할 때에는 실제로 피조사면이 경험하는 광이므로 중요하다. 또한, 조도계는(UVPF-

A1, EYE GRAPHICS Co., Ltd. 제품), 편광자 및 검광자에는 와이어 그리드 편광필터(ProFlux PPLO2(고투과율 타

입), Moxtek Inc.  제품), 광원으로서 350~400nm에 강한 발광 스펙트럼을 갖는 D-Bulb를 탑재한 마이크로 웨이

브 발광방식의 자외선 조사장치를 사용하였다.

도 2에 나타내는 결과로부터, 애퍼쳐(5)의 슬릿폭(8)을 크게 할 수록, 조도(mW/㎠)가 높아져서, 중합성 조성물<100>

층의 경화를 단시간에 행하는 경향이 있는 것을 이해할 수 있다. 한편으로, 도 3에 나타내는 바와 같이, 슬릿폭

을 넓히면 소광비가 낮은 성분도 조사되어, 2색성 중합 개시제로부터 발생하는 라디칼의 편재화가 불충분해지는

경향이 있는 것을 이해할 수 있다. 애퍼쳐(5)의 슬릿폭(8)을 조정함으로써, 소광비가 1 이상 5 이하인 편광성분

의 비율이 단위면적당 조사량의 15%를 초과한 비율로 되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 소광비가 낮은 광의 비

율은 도 3에 나타내는 바와 같이, 램프(2)로부터 피조사면에 수직하게 내린 위치로부터 좌우로 벗어날 수록 높

아지므로, 슬릿폭(8)은 램프(2)의 중심으로부터 피조사면에 수직하게 내린 선을 중심으로 하여, 좌우로 동일한

폭으로 하는 것이 바람직하다.

편광 자외선 조사장치가 구비하는 램프(2)로는 고압수은 램프나 메탈할라이드 램프 등의 로드형상 램프가 사용<101>

된다.  바람직하게는, 적어도  200nm~400nm의  발광  광선을  조사가능한 광원이다.  편광  자외선의  파장으로는

300~450nm에 피크를 갖는 것이 바람직하고, 350~400nm에 피크를 갖는 것이 더욱 바람직하다. 또한, 조사 안정성

이 높고, 조사량이 많고, 램프의 수명이 긴 것이 바람직하다.

편광 자외선 조사장치가 구비하는 반사경(1)은 필요한 자외선 파장에 대하여 높은 반사율을 갖고 있는 것이 바<102>

람직하다. 또한, 열에 의한 조사물의 변형·변성을 회피하기 위해서, 가시 및 적외의 파장영역에 있어서 낮은

반사율을 갖는 것이 바람직하다. 

편광 자외선 조사장치가 갖는 편광소자(6)로는 필요한 자외선 파장에 대하여 편광 분리특성을 갖고 있으면 특별<103>

히 한정하지 않고, 각종의 것을 사용할 수 있다. 흡수형 편광자로는 요오드나 2색성 색소를 도프한 폴리비닐알

콜을 연신하여 이루어진 편광자나 2색성 침형상 결정을 배열시킨 편광자가 열거되고, 비흡수형 편광자로는 브루

스터 각을 이용한 편광자, 유전체 다층막에 의한 편광자, 와이어 그리드 편광자, 산란형 편광자 등이 열거된다.
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비흡수형 편광자가 바람직하고, 그 중에서도 넓은 파장영역에서 높은 편광 분리능을 갖고, 가공 성형성이 높은

와이어 그리드 편광자가 특히 바람직하다.

와이어 그리드 편광자는 종래 전파를 사용한 레이더, 적외선을 사용한 천체 관측 장치 등의 분야에 사용되고 있<104>

고, 최근에는 액정 프로젝터 시스템과 같은 가시광을 사용하는 분야에서도 사용되기 시작하고 있다. 와이어 그

리드 편광자는 기판에 의해 지지된 복수의 평행 도전성 전극으로 구성된다. 도체의 피치 또는 주기, 개개의 도

체의 폭, 및 도체의 두께에 의해 특징지울 수 있다. 와이어 그리드 편광자의 전기도체로는, 예컨대 은·크롬·

알루미늄 등의 금속선을 사용할 수 있다.

와이어 그리드 편광자의 직선형상의 전기도체는 리소그래피 기술이나 에칭 기술을 이용해서 제조된다. 전기도체<105>

의 단면형상은 피치·전기도체의 폭, 전기도체의 높이·전기도체의 길이에 의해서 정의되고, 직선형상 전기도체

를 제조할 때에 사용하는 리소그래피 기술이나 에칭 기술로 제조가능한 형상의 범위이다. 와이어 그리드 편광자

의 구조에 대해서는, 전기도체의 크기 및 구성은 조사하는 광의 파장에 따라서 바람직한 범위가 결정된다. 전기

도체의 길이는 제조가능한 범위에서 편광파장보다도 길면 좋고, 1OOnm보다도 긴 전기도체가 일반적으로 사용된

다. 전기도체의 피치는 조사하는 자외선의 파장이하, 바람직하게는 파장의 1/3 이하가 좋고, 1.5~0.06㎛인 것이

바람직하다. 전기도체의 폭은 조사하는 자외선의 파장 이하, 바람직하게는 파장의 1/3 이하가 좋고, 또한 피치

의 10%~90%의 폭인 것이 바람직하다. 전기도체의 높이는 0.005~0.5㎛인 것이 바람직하다. 와이어 그리드 편광자

는 편광 분리가능한 파장범위는 그 전기도체의 피치에 의존한다. 구체적으로는, 편광 자외선이라고 하는 자외선

의 파장에 대하여 ±50~±100nm 정도의 범위이면, 소광비를 저하시키지 않고 편광시킬 수 있지만, 그 범위를 초

과한 파장의 광은 소광비가 저하한다.

편광 자외선 조사장치가 구비하는 파장선택 필터(4)에 대해서는 특별한 제한은 없다. 그 예로는 엣지 필터 및<106>

밴드패스 필터가 포함된다. 파장선택 필터(4)의 위치에 대해서도 특별한 제한은 없지만, 편광자(6)를 파장선택

필터(4)보다도, 광조사방향 보다 전방(즉, 피조사 샘플에 보다 가까운 위치)에 배치하는 것이 바람직하다. 엣지

필터나 밴드패스 필터의 특성은 일반적으로 투과율의 파장 의존성으로 정의되어 있고, 투과율이 0.005일 때의

파장(λa)과, 투과율이 0.5일 때의 파장(λc)과, 투과율이 0.95 이상이 되는 파장(λp)으로 표시된다. 예컨대,

350nm~400nm의 근자외선광에 의한 라디칼 발생을 여기하고 싶을 경우, λa는 340nm 정도, λp는 37Onm 정도로

설정하는 것이 바람직하다. λa와 λp가 좁은 파장범위에 있음으로써 광필터의 파장 선택성은 향상되고, 이러한

엣지 필터나 밴드패스 필터의 특성에 의해 중합성 조성물의 층의 경화도를 조절할 수 있고, 또는 불필요한 광이

조사되는 것을 막아서, 소재의 변질을 막는 등의 효과가 얻어지는 경우가 있다.

엣지 필터나 밴드패스 필터는 굴절율이 서로 다른 층을 적층하고, 층간에서 반사된 광이 파장의 1/2 위상변화함<107>

으로써 입사광을 제거하는 광간섭을 이용한 것이다. 엣지 필터나 밴드패스 필터의 대표적인 예로는 기판에 무기

재료로 이루어진 박막이 복수 형성된 것이 있다. 그 무기재료로는 AlF3, BaF2, CaF2, Na3AlF6, DyF3, GdF3, LaF3,

MgF2, NdF2, TdF3, YbF3, YF3 등의 불화물; SiO2, SiO, Al2O3, HfO2, ZrO2, Ta2O5, Nb2O5, TiO2, In2O3, WO3 등의 산

화물; SiON,  Si3N4  등의 질화물; SiC,  B4C  등의 탄화물; 및 SiO2/Al2O3,  Al2O3/Pr6O11,  Al2O3/La2O3,  ZrO2/Ta2O5,

ZrO2/MgO, ZrO2/Al2O3, TiO2/Pr6O11, TiO2/Al2O3, TiO2/La2O3 등의 산화물의 혼합물;이 사용된다. 이들 무기재료는

진공증착, 전자빔증착, 이온빔증착, 플라스마증착 또는 스퍼터링에 의해 기판 상에 박막이 형성된다. 기판으로

는 자외선의 투과율이 우수하고, 자외선 광원으로부터의 열에 안정한 오존리스 석영유리, 합성 석영유리, 천연

석영유리가 바람직하다.

편광 자외선 조사장치가 구비하는 광의 방향을 조절하는 광학부품(3)으로는 광의 방향을 변경가능한 부품이면<108>

어느 것이나 사용할 수 있다. 예컨대, 광학렌즈(실린드리칼 렌즈나 콜리메이터 렌즈) 등을 이용하여도 좋고, 그

재질로는 자외선의 투과율이 우수하고, 자외선 광원으로부터의 열에 안정한 오존리스 석영유리, 합성 석영유리

및 천연 석영유리가 바람직하다. 또한, 광학부품의 위치는 편광자에 대하여 램프측이어도 조사면측이어도 좋고,

그 양쪽이어도 좋다.

편광 자외선 조사장치가 갖는 애퍼쳐(5)는 자외선에 대하여 저반사 가공을 실시한 금속 플레이트를 소정의 슬릿<109>

폭(8)으로 배치한 것,  및  자외선 흡수가능한 소정의 슬릿폭을 갖는 광학필터를 사용하는 것이 바람직하다.

또한, 그 위치는 편광자(6)에 대하여 램프(2)측이어도, 피조사면(7)측이어도 좋고, 그 양쪽에 배치해도 좋다.

본 발명의 방법에 이용가능한 편광 자외선 조사장치는 도 1에 나타내는 구성에 한정되지 않고, 그 밖의 부재를<110>

포함하고 있어도 좋다. 예컨대, 조사폭에 맞춰서 램프 길이방향으로 복수의 상기 편광 자외선 조사장치를 배열

해도 좋고, 또한 상기 편광 자외선 조사장치의 각 구성요소를 냉매에 의해 냉각하는 기구를 갖고 있어도 좋다.
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자외선이 조사되는 모든 부재, 예컨대 애퍼쳐(5), 파장선택 필름(4), 편광자(6), 및 조광기기(램프(2)로부터의

광을 피조사면(7)의 방향으로 반사하는 반사경(1), 램프(2)로부터의 광의 방향을 조절하는 광학부품(3)) 모두가

냉각기구를 구비하고 있는 것이 바람직하다. 그 중에서도, 편광자(6) 및 파장선택 필름(4) 등의 광학필터는 자

외선 조사에 의한 발열에 의해 성능이 변동할 가능성이 있고, 또한 단수명화할 가능성도 높으므로, 냉각기구를

구비하고 있는 것이 특히 바람직하다. 편광자(6)나 파장선택 필터(4)를 지지하는 기판 등을 구비하고 있는 경우

에는, 냉각기구는 상기 기판의 측면에 형성된 냉매가 주입되는 주입구, 냉매가 배출되는 배출구, 및 기판 내부

에 형성된 냉매가 순환가능한 공동이나 유로 등으로 구성된다. 이러한 냉각기구를 구비하고 있으면, 자외선 조

사에 의해 편광자나 파장선택 필터 등의 광학필터가 과도하게 가열되어 열화되는 것을 경감시킬 수 있다. 그 결

과, 보다 안정적으로 제막공정을 실시할 수 있고, 생산성이 더욱 개선된다. 기판부의 내부에 있어서의 냉매의

유로 형상에 대해서는 특별히 한정되지 않고, 주입구로부터 배출구로 가로지르는 직선적인 형상이어도 복수의

편광자를 배치한 경우에는 복수의 이들 광학필터가 보다 효율적으로 냉각되듯이 굴곡부나 분기부를 갖고 있어도

좋다. 또한 기판부의 내부 전체가 공동으로 되어 있어도 좋다.

사용하는 냉매는 특별히 재료에 제한은 없다. 또한, 편광자가 냉각유닛의 하부에 배치되어 있는 경우에는 사용<111>

하는 액상 냉매의 굴절율은 1.30~1.60이면 바람직하다. 마찬가지로, 냉매가 광원으로부터의 자외선을 흡수해서

조사효율이 저하하여 버리는 것을 피하기 위해서, 냉매는 적어도 조사 자외선 파장에 흡수가 없는 재료에서 선

택하는 것이 바람직하고, 파장 240~780nm, 바람직하게는 300~700nm, 더 바람직하게는 330~600nm에 실질적으로

흡수가 없는 재료에서 선택되는 것이 보다 바람직하다. 굴절율이 상기 범위이고, 또한 상기 파장영역에 흡수가

없는 냉매의 예로는 공기, 순수, 알콜류(예컨대, 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 글리세린, 메탄올, 에탄올, 이

소프로필알콜), 실리콘 오일이 포함된다. 순수와 알콜류의 혼합액도 바람직하다.

냉매의 온도는 10~70℃인 것이 바람직하고, 15~60℃인 것이 더욱 바람직하고, 20~50℃인 것이 더욱 바람직하다.<112>

또한, 상기 편광 자외선 조사장치는, 예컨대 편광 자외선이 조사되는 중합성 조성물층을 갖는 장척상의 지지체<113>

(예컨대, 고분자 필름)를 반송하기 위한 반송수단이나, 편광자를 통하지 않고 시료에 자외선을 조사가능하게 하

기 위해서 편광자를 이동가능하게 지지하는 지지부재 등을 구비하고 있어도 좋고, 또한 편광자를 통하지 않고

자외선 등을 피조사체에 조사가능한 다른 광원이 시료의 반송방향에 대해 보다 상류 또는 보다 하류에 배치되어

있어도 좋다.

상기 공정(3)에 있어서, 편광 자외선 조사의 조사량은 10OmJ/㎠~5J/㎠인 것이 바람직하고, 150mJ/㎠~3J/㎠인 것<114>

이 보다 바람직하고, 20OmJ/㎠~2J/㎠인 것이 더욱 바람직하다. 조사량은 편광 자외선 조사에 사용하는 광원의

조도와, 조사시간에 의하여 결정된다. 조도는 20mW/㎠~2O00mW/㎠인 것이 바람직하고, 1O0mW/㎠~1500mW/㎠인 것

이 보다 바람직하고, 2O0mW/㎠~1O00mW/㎠인 것이 더욱 바람직하다. 상기와 같이, 소광비가 낮은 성분의 제거를

애퍼쳐에 의해 행하는 경우에는 슬릿폭을 좁게 할수록 바람직하지만, 한편으로는 조도가 저하한다. 슬릿폭을 좁

게 함으로써 조도를 저하시키면도 조사량을 상기 적절한 범위로 하기 위해서는, 조사시간을 조정하는 것이 바람

직하다. 상기 지지체를 반송하면서 연속적으로 실시하는 경우에는 반송속도를 제어함으로써 조사시간을 바람직

한 범위로 설정할 수 있다. 예컨대, 슬릿폭이 20~90mm인 범위에서는 반송속도는 1m/분~10m/분의 범위인 것이 바

람직하고, 1m/분~5m/분의 범위인 것이 보다 바람직하다. 단, 광원의 등수를 증가시키거나 또는 광원의 위치를

조정하는 등에 의해서 보다 빠른 반송속도로 설정하고, 또한 슬릿폭을 좁게 하여도 상기 적절한 조사량이 얻어

지는 경우도 있으므로, 반송속도는 상기 범위에 한정되는 것은 아니다.

또한, 애퍼쳐를 이용하여 소광비가 낮은 광을 제거하는 경우에는 양호한 생산성을 유지하기(즉, 반송속도를 적<115>

절한 범위로 유지함) 위해서는 소광비 1 이상 8 이하인 편광 자외선이 조사량에 대해서 차지하는 비율은 5%를

초과하고 15% 이하인 것이 바람직하고, 7%~15%인 것이 보다 바람직하다.

상기 공정(3)에서는 가열하면서 편광 자외선 조사를 실시해도 좋다. 중합성 조성물층의 막면온도를 중합성 액정<116>

화합물의 등방 상전이온도 Tiso 정도의 온도로 유지하고 편광 자외선 조사를 실시하는 것이 바람직하다. 구체적

으로는, 편광 자외선 조사 시에 중합성 조성물층의 막면온도를 Tiso-50~Tiso℃로 유지하는 것이 바람직하고, Tiso-

30~Tiso℃로 유지하는 것이 보다 바람직하다. 막면온도가 상기 범위이면, 상기 범위 미만의 온도에서 편광 자외

선 조사를 실시하는 것 보다도 배향의 흐트러짐을 보다 경감시킬 수 있어, 형성되는 광학 이방성 층의 면형상이

양호해진다. 또한, 막면온도는 적외방사 온도계(예컨대, IT2-01, Keyence Corporation  제품)에 의해 측정할 수

있다.

또한, 막면온도를 상기 범위로 하기 위해서, 편광 자외선 조사 개시 10초전부터, 편광 자외선 조사 개시후 300<117>
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초 이하의 사이에 가열하는 것이 바람직하고, 더욱이 편광 자외선 조사개시 10초 전부터 편광 자외선 조사 개시

후 10초 이하의 사이에 가열하는 것이 보다 바람직하다. 막면의 온도를 상기 온도범위로 유지하는 시간이 지나

치게 짧으면, 피막을 형성하는 중합성 조성물의 반응을 촉진할 수 없고, 또한 설비가 커지는 등의 제조상의 문

제도 생긴다.

가열하는 방법에 특별히 한정은 없지만, 상기 온도범위의 산소 차폐가스를 편광 자외선 조사공정, 및 소망에 따<118>

라 실시되는 반송공정 및 후가열공정에 있어서 구역 중에 분사하는 것이 바람직하다. 또한, 분사와 함께 또는

분사 대신에, 롤을 가열해서 지지체인 폴리머 필름에 접촉시키는 방법, 가열한 질소를 블로잉하는 방법, 원적외

선 또는 적외선의 조사 등을 적용해도 좋다. 일본 특허 2523574호 공보에 기재된 회전 금속롤에 온수나 증기를

흘려서 가열하는 방법도 이용할 수 있다.

본 발명과 같이 광학 이방성층 중에 액정 화합물을 함유하는 경우, 또한 막내에서의 액정의 분포 또는 배향막의<119>

흐트러짐이 직접 광학특성에 영향을 주는 경우에는, 지지체를 포함한 필름 전체의 막두께 방향의 온도분포를 일

정하게 유지할 필요가 있다. 가열한 질소를 블로잉하는 방법이나, 원적외선 또는 적외선 조사를 적합하게 사용

할 수 있다. 상기 가열한 롤에 접촉시켜서 필름의 온도제어를 행하는 경우에는 필름 두께방향의 온도분포를 균

일하게  유지할  필요가  생기지만,  이  때에는  가열한  질소를  블로잉하는  방법과  조합하여  실시하는  것이

유효하다.

또한, 형성되는 광학 이방성층의 강도의 점에서, 상기 공정(3)에 있어서 편광 자외선 조사는 산소농도 3체적%<120>

이하의 분위기 하에서 실시하는 것이 바람직하고, 산소농도 1%체적 이하에서 실시하는 것이 보다 바람직하고,

산소농도 0.5체적% 이하에서 실시하는 것이 더욱 바람직하다. 산소농도가 상기 범위인 불활성 가스 분위기 하에

서 편광 자외선의 조사를 행하면, 형성되는 광학 이방성층의 강도의 점에서 바람직하다. 또한, 편광 자외선 조

사전, 및 소망에 따라 실시되는 경화후의 가열시의 산소농도는 10체적% 이하가 바람직하고, 5체적% 이하가 보다

바람직하고, 3체적% 이하가 더욱 바람직하고, 1체적%가 특히 바람직하다. 산소농도를 저하시키는 수단으로는 대

기(질소농도 약 79체적%, 산소농도 약 21체적%)를 다른 불활성 기체로 치환하는 수단이 취해진다. 불활성 기체

의 예로는 화학적으로 불활성의 가스(헬륨, 아르곤, 질소)나, 산소 결핍 등 방지 규칙의 별표 제6에 기재되어

있는, 플론, 탄산 가스 등이 포함된다. 화학적으로 안정하고 또한 저가라는 점에서, 특히 질소가 저렴하여 바람

직하게 사용할 수 있다.

산소농도를  상기  범위로  유지하는  동시에  소정의  온도로  하기  위해서,  상기경화공정 및/또는  반송공정에<121>

있어서, 소정의 온도(바람직하게는 40℃ 이상)의 산소차폐 가스를 구역 중에 분사하는 것이 바람직하다. 상기

경화공정 및/또는 반송공정을 행하는 구역의 산소농도를 낮추기 위해서 사용한 불활성 기체를 그 이전의 저산소

농도 구역 및/또는 그 이후의 반송공정의 구역으로 배기해도 좋다. 이러한 구성으로 하면, 불활성 기체를 유효

하게 이용하여, 제조비용의 저감의 관점에서 바람직하다.

상기 공정(3)을 통해서 형성되는 광학 이방성층의 일례는 면내의 지상축을 경사축(회전축)으로 하여 광학보상필<122>

름의 법선방향에 대하여 +40°경사진 방향으로부터 파장 λnm의 광을 입사시켜서 측정한 리타데이션 치, 및 면

내의 지상축을 경사축(회전축)으로 하여 광학보상필름의 법선방향에 대하여 -40°경사진 방향으로부터 파장 λ

nm의 광을 입사시켜서 측정한 리타데이션 치가 실질적으로 동등한 광학특성을 갖는 소위 2축성 광학 이방성층이

다. 이러한 광학 이방성층은, 중합성 로드형상 액정 화합물을 이용하여 상기 공정(2)에서 로드형상 액정분자를

배향시켜서, 콜레스테릭 배향 또는 경사각이 두께방향으로 서서히 변화되면서 트위스트된 하이브리드 콜레스테

릭 배향을 형성하고(제 1 배향상태), 상기 공정(3)에서 편광 자외선 조사에 의해 2색성 중합 개시제로부터 발생

하는 라디칼을 국재화시켜서 중합을 진행시킴으로써 이러한 콜레스테릭 또는 하이브리드 콜레스테릭 배향을 왜

곡(제 2 배향상태)시킴으로써 형성할 수 있다. 편광 자외선 조사에 의해 배향을 왜곡시키는데에 기여하는 2색성

중합 개시제는 국제공개 WO03/054111호 공보에 기재되어 있다.

본 발명의 방법에 의해 상기 공정(3)에서 형성되는 2축성 광학 이방성층의 Re는 5~250nm인 것이 바람직하고,<123>

10~100nm인  것이 보다 바람직하고, 20~80nm인  것이 더욱 바람직하다. Rth는  투명 지지체의 Rth와의 합계가

30~50Onm인 것이 바람직하고, 40~400nm인 것이 보다 바람직하고, 100~35Onm인 것이 가장 바람직하다.

이러한 광학특성의 2축성 광학 이방성층은 VA 모드의 액정표시장치의 광학보상에 특히 유용하다.<124>

[(4) 후처리 광조사공정]<125>

상기 광학 이방성층과 배광막의 밀착성이나, 광학 이방성층의 강도를 보다 높이기 위해서, 상기 공정(3) 후에<126>

편광 또는 비편광 자외선을 더 조사(이하, 「(4) 후처리 광조사공정」이라고 함)해도 좋다. 후처리 광조사에 이

- 18 -

공개특허 10-2008-0018853



용하는 자외선은 편광 및 비편광 중 어느 것이어도 좋지만, 큰 조사량을 얻을 수 있는 점에서는 비편광인 것이

바람직하다. 후처리 광조사는 편광만으로도 비편광만으로도, 편광과 비편광을 조합시켜도 좋지만, 조합시키는

경우에는 비편광보다 먼저 편광을 조사하는 것이 바람직하다. 자외선 조사시에는 불활성 가스 치환을 하여도 또

는 하지 않아도 좋지만, 산소농도 0.5% 이하의 불활성 가스 분위기 하에서 행하는 것이 바람직하다. 후처리 광

조사에 있어서의 자외선 조사 에너지는 20mJ/㎠~10J/㎠인 것이 바람직하고, 20~30OmJ/㎠인 것이 더욱 바람직하

다. 조도는 20~1200mW/㎠인 것이 바람직하고, 50~1O00mW/㎠인 것이 보다 바람직하고, 100~80OmW/㎠인 것이 더욱

바람직하다. 조사 파장으로는 편광조사의 경우는 300~450nm에 피크를 갖는 것이 바람직하고, 350~400nm에 피크

를 갖는 것이 더욱 바람직하다. 비편광조사의 경우는 200~450nm에 피크를 갖는 것이 바람직하고, 250~400nm에

피크를 갖는 것이 더욱 바람직하다.

상기 공정(3)을 거쳐서 또는 소망에 따라 상기 공정(4)을 더 거쳐서 제조된 광학필름은 광학보상필름 등으로서<127>

그대로 액정표시장치에 조립될 수 있다. 또한, 장척상의 폴리머 필름을 연속적으로 공급하면서, 배향막을 형성

하고, 그 후에 상기 공정(1)~(3), 및 소망에 따라 공정(4)을 실시하여 제조된 장척상의 광학필름을 일단 롤형상

으로 권취해도 좋다. 그 후, 액정표시장치의 크기 등에 따라, 소정의 크기로 재단하여, 용도에 제공할 수 있다.

또한, 하기 (5) 편광막을 적층하는 공정을 거쳐서, 광학 이방성층 부착 편광판을 제조해도 좋고, 또는 하기 (6)<128>

감광성 수지층을 형성하는 공정을 거쳐서 전사재료를 제조해도 좋다.

[(5) 편광막의 적층공정]<129>

상기한 바와 같이, 일단 롤형상으로 권취한 장척상의 광학필름과, 마찬가지로 롤형상으로 권취한 장척상의 편광<130>

막 및 보호막용 폴리머 필름의 합계 3장의 필름을 롤·투·롤로 접합시켜서 편광판을 제조해도 좋다. 롤·투·

롤로 적층을 행하면, 생산성의 관점 뿐만 아니라 편광판의 치수변화나 컬의 발생이 일어나기 어려워, 높은 기계

적 안정성을 부여할 수 있으므로 바람직하다. 또한, 편광막과 접합시키는 광학필름의 이면(광학 이방성층이 형

성되어 있지 않은 측의 면) 및 보호막용 폴리머 필름의 표면에는 비누화 처리를 실시해도 좋다. 접합시킬 때에

는 접착제를 사용하는 것이 바람직하고, 일반적으로는 편광막으로 같은 재질인 폴리비닐알콜계 접착제를 사용하

는 것이 바람직하다.

또한, 물론 상기 3장의 필름을 소정의 크기로 재단한 후, 적층해서 편광판을 제조해도 좋다.<131>

[(6) 감광성 수지층 형성 공정]<132>

상기 공정(3)을 거쳐서, 또는 소망에 따라 상기 공정(4)을 더 거쳐서 형성된 광학 이방성층 상에 감광성 수지층<133>

을 형성하여 전사재료를 제조할 수 있다. 이러한 전사재료는 상기 광학 이방성층을 피전사 기판에 전사함과 아

울러, 그 후 소망한 패턴으로 패터닝하는 경우에 특히 유용하다. 예컨대, 액정셀 기판에 광학 이방성층을 전사

하고, R, G 및 B의 부화소에 따라 광학 이방성층을 도메인화하고, 광학보상을 최적화하는 경우 등에 특히 유용

하다.

상기 감광성 수지층은 감광성 수지 조성물을 도포액으로서 조제하고, 상기 도포액을 상기 광학 이방성층의 표면<134>

에 도포·건조하는 것으로 형성할 수 있다. 감광성 수지 조성물은 포지티브형이어도 네거티브형이어도 좋다. 감

광성 수지 조성물의 일례로서, 적어도 (1)알칼리 가용성 수지, (2)모노머 또는 올리고머, 및 (3)광중합 개시제

또는 광중합 개시제계를  함유하는 수지 조성물이 열거된다. 또한, 액정셀 내에 광학 이방성층을 전사할 때에,

동시에 전사되는 감광성 수지층을 컬러필터로서 이용하는 형태에서는 상기 (1)~(3)의 성분에 더해서, (4) 염료

또는 안료와 같은 착색제를 함유하는 착색 수지 조성물을 이용하는 것이 바람직하다.

이하, 이들 (1)~(4)의 성분에 대해서 설명한다.<135>

(1) 알칼리 가용성 수지<136>

상기 알칼리 가용성 수지(이하, 간단히 「바인더」라고 하는 경우가 있다.)로는 측쇄에 카르복실산기나 카르복<137>

실산 염기 등의 극성기를 갖는 폴리머가 바람직하다. 그 예로는 일본 특허공개 소59-44615호 공보, 일본 특허공

고 소54-34327호 공보, 일본 특허공고 소58-12577호 공보, 일본 특허공고 소54-25957호 공보, 일본 특허공개 소

59-53836호 공보 및 일본 특허공개 소59-71048호 공보에 기재되어 있는 것과 같은 메타크릴산 공중합체, 아크릴

산 공중합체, 이타콘산 공중합체, 크로톤산 공중합체, 말레산 공중합체, 부분 에스테르화 말레산 공중합체 등을

열거할 수 있다. 또한, 측쇄에 카르복실산기를 갖는 셀룰로오스 유도체도 열거할 수 있고, 또한 그 외에도 히드

록실기를 갖는 폴리머에 환상 산무수물을 부가한 것도 바람직하게 사용할 수 있다. 또한, 특히 바람직한 예로서

미국특허 제4139391호 명세서에 기재된 벤질(메타)아크릴레이트와 (메타)아크릴산의 공중합체나, 벤질(메타)아
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크릴레이트와 (메타)아크릴산과 다른 모노머의 다원 공중합체를 열거할 수 있다. 이들 극성기를 갖는 바인더 폴

리머는 단독으로 사용해도 좋고, 또는 일반적인 막형성성의 폴리머와 병용하는 조성물의 상태로 사용해도 좋고,

감광성 수지 조성물의 전체 고형분에 대한 함유량은 20~50질량%가 일반적이고, 25~45질량%가 바람직하다.

(2) 모노머 또는 올리고머 <138>

상기 감광성 수지층에 사용되는 라디칼 중합성 모노머 또는 올리고머로는 에틸렌성 불포화 이중결합을 2개 이상<139>

갖고, 광의 조사에 의해 부가 중합하는 모노머 또는 올리고머인 것이 바람직하다. 이러한 모노머 및 올리고머로

는 분자중에 적어도 1개의 부가 중합가능한 에틸렌성 불포화기를 갖고, 비점이 상압에서 100℃ 이상인 화합물을

열거할 수 있다. 그 예로는 폴리에틸렌글리콜 모노(메타)아크릴레이트, 폴리프로필렌글리콜 모노(메타)아크릴레

이트 및  페녹시에틸(메타)아크릴레이트등의 단관능 아크릴레이트나 단관능 메타크릴레이트; 폴리에틸렌글리콜

디(메타)아크릴레이트, 폴리프로필렌글리콜 디(메타)아크릴레이트, 트리메티롤에탄 트리아크릴레이트, 트리메티

롤프로판 트리(메타)아크릴레이트, 트리메티롤프로판 디아크릴레이트, 네오펜틸글리콜 디(메타)아크릴레이트,

펜타에리스리톨 테트라(메타)아크릴레이트, 펜타에리스리톨 트리(메타)아크릴레이트, 디펜타에리스리톨 헥사(메

타)아크릴레이트, 디펜타에리스리톨 펜타(메타)아크릴레이트, 헥산디올 디(메타)아크릴레이트, 트리메티롤프로

판  트리(아크릴로일옥시프로필)에테르, 트리(아크릴로일옥시에틸)이소시아누레이트, 트리(아크릴로일옥시에틸)

시아누레이트, 글리세린 트리(메타)아크릴레이트; 트리메티롤프로판이나 글리세린 등의 다관능 알콜에 에틸렌

옥사이드 또는 프로필렌 옥사이드를 부가한 후 (메타)아크릴레이트화한 것 등의 다관능 아크릴레이트나 다관능

메타크릴레이트를 열거할 수 있다.

또한, 일본 특허공고 소48-41708호 공보, 일본 특허공고 소50-6034호  공보및 일본 특허공개 소51-37193호 공보<140>

에 기재되어 있는 우레탄 아크릴레이트류, 일본 특허공개 소48-64183호 공보, 일본 특허공고 소49-43191호 공보

및 일본 특허공고 소52-30490호 공보에 기재되어 있는 폴리에스테르 아크릴레이트류; 에폭시 수지와 (메타)아크

릴산의 반응 생성물인 에폭시아크릴레이트류 등의 다관능 아크릴레이트나 메타크릴레이트를 열거할 수 있다.

이들 중에서, 트리메티롤프로판 트리(메타)아크릴레이트, 펜타에리스리톨 테트라(메타)아크릴레이트, 디펜타에<141>

리스리톨 헥사(메타)아크릴레이트, 디펜타에리스리톨 펜타(메타)아크릴레이트가 바람직하다.

또한, 이밖에 일본 특허공개  평11-133600호 공보에 기재된 「중합성 화합물 B」도 바람직한 것으로 열거할 수<142>

있다.

이들 모노머 또는 올리고머는 단독으로도, 2종류 이상을 혼합해서 사용해도 좋고, 감광성 수지 조성물의 전체<143>

고형분에 대한 함유량은 5~50질량%가 일반적이고, 10~40질량%가 바람직하다.

상기 감광성 수지층에 사용되는 양이온 중합성 모노머 또는 올리고머로는 환상 에테르, 환상 포르말, 아세탈,<144>

비닐알킬에테르, 티란기를 포함하는 화합물, 비스페놀형 에폭시 수지, 노볼락형 에폭시 수지, 지환식 에폭시 수

지, 에폭시화 불포화 지방산, 에폭시화  폴리부타디엔 등의 에폭시 화합물을 열거할 수 있다. 이러한 모노머 또

는 올리고머의 예로는 카키우치 히로시 편저 「NEW EPOXY RESINS」 SHOKODO, Co., Ltd.(1985년 간행), 하시모

토  쿠니유키 편저 「EPOXY  RESINS」  NIKKAN  KOGYO  SHIMBAN,  Ltd.(1969년  간행)등에 기재된 화합물류의 것

외에, 3관능 글리시딜 에테르류(트리메티롤에탄 트리글리시딜 에테르, 트리메티롤프로판트리글리시딜 에테르,

글리세롤 트리글리시딜 에테르, 트리글리시딜 트리스히드록시에틸 이소시아누레이트 등), 4관능 이상의 글리시

딜 에테르류(소르비톨 테트라글리시딜 에테르, 펜타에리스리톨 테트라글리실 에테르, 크레졸노볼락 수지의 폴리

글리시딜 에테르, 페놀노볼락 수지의 폴리글리시딜 에테르 등), 3관능 이상의 지환식 에폭시류(EPOLEAD GT-301,

EPOLEAD GT-401, EHPE(이상, Daicel Chemical Industries, Ltd. 제품), 페놀노볼락 수지의 폴리시클로헥실에폭

시 메틸에테르 등), 3관능 이상의 옥세탄류(OX-SQ, PNOX-1009(이상, Toagosei Co., Ltd. 제품) 등) 등이 열거

된다. 

(3)광중합 개시제 또는 광중합 개시제계 <145>

상기 감광성 수지층에 사용되는 광중합 개시제 또는 광중합 개시제계로는 미국특허 제2367660호 명세서에 개시<146>

되어 있는 비시날폴리케탈도닐 화합물, 미국특허 제2448828호 명세서에 기재되어 있는 아실로인에테르 화합물,

미국특허 제2722512호 명세서에 기재된 α-탄화수소로 치환된 방향족 아실로인 화합물, 미국특허 제3046127호

명세서 및 동 제2951758호 명세서에 기재된 다핵 퀴논 화합물, 미국특허 제3549367호 명세서에 기재된 트리아릴

이미다졸 2량체와 p-아미노케톤의 조합, 일본 특허공고 소51-48516호 공보에 기재된 벤조티아졸 화합물과 트리

할로메틸-s-트리아진 화합물, 미국특허 제4239850호 명세서에 기재되어 있는 트리할로메틸-트리리아진 화합물,

미국특허 제4212976호 명세서에 기재되어 있는 트리할로메틸 옥사디아졸 화합물 등을 열거할 수 있다. 특히, 트

- 20 -

공개특허 10-2008-0018853



리할로메틸-s-트리아진, 트리할로메틸옥사디아졸 및 트리아릴이미다졸 2량체가 바람직하다.

또한, 이밖에 일본 특허공개  평11-133600호 공보에 기재된 「중합 개시제 C」도 바람직한 것으로서 열거할 수<147>

있다. 감광성 수지 조성물의 전체 고형분에 대한 광중합 개시제 또는 광중합 개시제계의 함유량은 0.5~20질량%

가 일반적이고, 1~15질량%가 바람직하다.

상기 양이온 중합 개시제로는 테트라플루오로보레이트, 헥사플루오로포스페놀 등 루이스산의 아릴 디아조늄염,<148>

디아릴 요오드늄염, 트리아릴 술포늄염 등의 복염,  벤질실릴에테르, o-니트로벤질실릴에테르, 트리페닐(t-부

틸)퍼옥시실란 등의 실라놀 발생성 실란 화합물과 트리스(에틸아세토아세트산)알루미늄 등의 알루미늄 착체의

혼합계 등을 열거할 수 있다. 감광성 수지 조성물의 전체 고형분에 대한 양이온 중합 개시제의 함유량은 0.5~20

질량%가 일반적이고, 1~15질량%가 바람직하다.

(4) 착색제<149>

상기한 바와 같이, 감광성 수지 조성물에는 용도에 따라 착색제(염료, 안료)를 첨가할 수 있다. 착색제는 공지<150>

의 착색제에서 널리 선택할 수 있다. 그 중에서도, 안료를 사용하는 경우에는 감광성 수지 조성물 중에 균일하

게 분산되어 있는 것이 바람직하고, 그를 위해서 입경이 0.1㎛ 이하, 특히는 0.08㎛ 이하인 것이 바람직하다.

상기 착색제로서 이용가능한 공지의 염료 및 안료로는 일본 특허공개 2004-302015호 공보의 단락번호[0033], 미<151>

국특허 제6,790,568호 명세서 컬럼 14에 기재된 안료 등이 열거된다.

착색제로는 (i) R(레드)의 착색 수지 조성물에 있어서는 C. I. 피그먼트·레드 254가, (ii) G(그린)의 착색 수<152>

지 조성물에 있어서는 C. I. 피그먼트·그린 36이, (iii) B(블루)의 착색 수지 조성물에 있어서는 C. I. 피그먼

트·블루 15:6이 바람직한 것으로서 열거된다. 또한 안료는 조합시켜서 사용해도 좋다.

본 발명에 있어서, 병용하는 것이 바람직한 안료의 조합은 C.I. 피그먼트·레드 254로는 C. I. 피그먼트·레드<153>

177, C. I. 피그먼트·레드 224, C. I. 피그먼트·옐로우 139, 또는 C. I. 피그먼트·바이올렛 23과의 조합이

열거되고, C. I. 피그먼트·그린 36으로는 C. I. 피그먼트·옐로우 150, C. I. 피그먼트·옐로우 139, C. I. 피

그먼트·옐로우 185, C. I. 피그먼트·옐로우 138, 또는 C. I. 피그먼트·옐로우 180과의 조합이 열거되고, C.

I.  피그먼트·블루  15:6으로는  C.  I.  피그먼트·바이올렛 23,  또는  C.  I.  피그먼트·블루 60의  조합이

열거된다.

이와 같이 병용할 경우의 안료 중의 C. I. 피그먼트·레드 254, C. I. 피그먼트·그린 36, C. I. 피그먼트·블<154>

루-15:6의 함유량은 C. I. 피그먼트·레드 254는 80질량% 이상이 바람직하고, 특히 90질량% 이상이 바람직하다.

C. I. 피그먼트·그린 36은 50질량% 이상이 바람직하고, 특히 60질량% 이상이 바람직하다. C. I. 피그먼트·블

루 15:6은 80질량% 이상이 바람직하고, 특히 90질량% 이상이 바람직하다.

상기 안료는 분산액으로서 사용하는 것이 바람직하다. 이 분산액은 상기 안료와 안료 분산제를 미리 혼합해서<155>

얻어지는 조성물을 후술하는 유기용매(또는 비히클)에 첨가해서 분산시킴으로써 조제할 수 있다. 상기 비히클이

란, 도료가 액체상태로 있을 때에 안료를 분산시키는 매질의 부분을 말하고, 액상이며 상기 안료와 결합해서 도

막을 고화시키는 부분(바인더)과, 이것을 용해 희석하는 성분(유기용매)을 함유한다. 상기 안료를 분산시킬 때

에 사용하는 분산기로는 특별히 제한하지 않고, 예컨대 아사쿠라 쿠니조 저, 「안료의 사전」, 제1판, 아사쿠라

쇼텐, 2000년, 438쪽에 기재되어 있는 니더, 롤밀, 아트라이터, 슈퍼밀, 디졸버, 호모믹서, 샌드밀 등의 공지의

분산기가 열거된다. 또한, 상기 문헌 310쪽에 기재된 기계적 마쇄에 의해 마찰력을 이용해 미분쇄해도 좋다.

상기 착색제(안료)는 수평균 입경 0.001~0.1㎛의 것이 바람직하고, 더욱 0.O01~0.08㎛의 것이 바람직하다. 안료<156>

수평균 입경이 0.001㎛ 미만이면 입자표면에너지가 커져 응집하기 쉬워져서 안료 분산이 어렵게 되는 동시에,

분산상태를  안정하게  유지하는  것도  어렵게  되어  바람직하지  않다.  또한,  안료  수평균  입경이  0.1㎛를

초과하면, 안료에 의한 편광의 해소가 생기고 콘트라스트가 저하하여 바람직하지 않다. 또한, 여기에서 말하는

「입경」이란 입자의 전자현미경 사진 화상을 동면적의 원으로 했을 때의 지름을 말하고, 또한, 「수평균 입경

」이란 다수의 입자에 대해서 상기의 입경을 구하고, 그 100개 평균치를 말한다.

상기 감광성 수지층을 전사후에 컬러필터로서 이용하는 경우에는 표시 불균일(막두께 변동에 의한 색 불균일)을<157>

효과적으로 방지한다고 하는 관점에서, 상기 감광성 수지 조성물 중에 적절한 계면활성제를 함유시키는 것이 바

람직하다. 상기 계면활성제는 다른 성분과 혼합가능하면 어느 것이나 사용가능하다. 본 발명에 사용하는 바람직

한  계면활성제로는 일본  특허공개 2003-337424호  공보  [0090]~[0091],  일본  특허공개 2003-177522호  공보

[0092]~[0093],  일본  특허공개  2003-177523호  공보  [0094]~[0095],  일본  특허공개  2003-177521호  공보
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[0096]~[0097],  일본  특허공개  2003-177519호  공보  [0098]~[0099],  일본  특허공개  2003-177520호  공보

[0100]~[0101], 일본 특허공개  평11-133600호 공보의 [0102]~[0103], 일본 특허공개  평6-16684호  공보의 발

명으로서 개시되어 있는 계면활성제가 바람직한 것으로서 열거된다. 보다 높은 효과를 얻기 위해서는 불소계 계

면활성제 및/또는 규소계 계면활성제(불소계 계면활성제, 또는 규소계 계면활성제, 불소원자와 규소원자의 모두

를 함유하는 계면활성제품) 중 어느 하나 또는 2종 이상을 함유하는 것이 바람직하고, 불소계 계면활성제가 가

장 바람직하다. 불소계 계면활성제를 사용할 경우, 상기 계면활성제 분자 중의 불소함유 치환기의 불소원자수는

1~38개가 바람직하고, 5~25개가 보다 바람직하고, 7~20개가 가장 바람직하다. 불소원자수가 지나치게 많으면 불

소를 함유하지 않은 통상의 용매에 대한 용해성이 떨어지는 점에서 바람직하지 않다. 불소원자수가 지나치게 적

으면 불균일의 개선효과가 얻어지지 않는 점에서 바람직하지 않다.

특히 바람직한 계면활성제로서, 하기 일반식(a) 및 일반식(b)으로 표시되는 모노머를 포함하고, 또한 일반식<158>

(a)/일반식(b)의 질량비가 20/80~60/40인 공중합체를 함유하는 것이 열거된다.

<159>

식중, R
1
, R

2
 및 R

3
은 각각 독립적으로 수소원자 또는 메틸기를 나타내고, R

4
 는 수소원자 또는 탄소수 1~5개의<160>

알킬기를 나타낸다. n은 1~18의 정수, m은 2~14의 정수를 나타낸다. p, q는 0~18의 정수를 나타내지만, p, q가

모두 동시에 0이 되는 경우는 포함하지 않는다.

특히 바람직한 계면활성제의 일반식(a)으로 표시되는 모노머를 모노머(a), 일반식(b)으로 표시되는 모노머를 모<161>

노머(b)라고 기재한다. 일반식(a)에 표시한 CmF2m+1은 직쇄이어도 분기쇄이어도 좋다. m은 2~14의 정수를 나타내

고, 바람직하게는 4~12의 정수이다. CmF2m+1의 함유량은 모노머(a)에 대하여 20~70질량%가 바람직하고, 특히 바람

직하게는 40~60질량%이다. R
1
은 수소원자 또는 메틸기를 나타낸다. 또한, n은 1~18을 나타내고, 그 중에서도

2~10이 바람직하다. 일반식(b)에 나타낸 R
2
 및 R

3
은 각각 독립적으로 수소원자 또는 메틸기를 나타내고, R

4
는 수

소원자 또는 탄소수 1~5개의 알킬기를 나타낸다. p 및 q는 0~18의 정수를 나타내지만, p 및 q의 양쪽이 동시에

0은 포함하지 않는다. p 및 q는 바람직하게는 2~8이다.

또한, 특히 바람직한 계면활성제 1분자 중에 포함되는 모노머(a)로는 서로 같은 구조의 것이어도, 상기 정의 범<162>

위에서 다른 구조의 것을 사용해도 좋다. 이 것은 모노머(b)에 대해서도 마찬가지이다.

특히 바람직한 계면활성제의 중량평균 분자량 Mw는 1000~40000이 바람직하고, 또한 5000~20000이 보다 바람직하<163>

다. 본 발명용 계면활성제는 상기 일반식(a) 및 일반식(b)으로 표시되는 모노머를 함유하고, 또한 일반식(a)/일

반식(b)의 질량비가 20/80~60/40인 공중합체를 함유하는 것을 특징으로 한다. 특히 바람직한 계면활성제 100질

량부는 모노머(a)가 20~60질량부, 모노머(b)가 80~40질량부, 및 그 밖의 임의의 모노머가 그 나머지 질량부로

이루어진 것이 바람직하고, 또한 모노머 (a)가 25~60질량부, 모노머(b)가 60~40질량부, 및 그 밖의 임의의 모노

머가 그 나머지 질량부로 이루어진 것이 바람직한다.

모노머(a) 및 (b) 이외의 공중합 가능한 모노머로는 스티렌, 비닐톨루엔, α-메틸스티렌, 2-메틸스티렌, 클로로<164>

스티렌, 비닐안식향산, 비닐벤젠술폰산 소다, 아미노스티렌 등의 스티렌 및 그 유도체, 치환체, 부타디엔, 이소

프렌 등의 디엔류, 아크릴로니트릴, 비닐에테르류, 메타크릴산, 아크릴산, 이타콘산, 크로톤산, 말레산, 부분

에스테르화 말레산, 스티렌술폰산 무수 말레산, 신남산, 염화비닐, 아세트산비닐 등의 비닐계 단량체 등이 열거

된다. 

특히 바람직한 계면활성제는 모노머(a), 모노머(b) 등의 공중합체이지만, 그 모노머 배열은 특별한 제한없이 랜<165>

덤이어도 규칙적, 예컨대 블록이어도 그래프트이어도 좋다. 또한, 특히 바람직한 계면활성제는 분자구조 및/또

는 모노머 조성이 다른 것을 2개 이상 혼합해서 사용할 수 있다.

상기 계면활성제의 함유량으로는 감광성 수지 조성물의 전체 고형분에 대하여 0.01~10질량%가 바람직하고, 특히<166>

0.1~7질량%가 바람직하다. 상기 계면활성제는 특정 구조의 계면활성 작용을 갖는 기와, 에틸렌 옥사이드기 및
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폴리프로필렌 옥사이드기를 소정량 함유하는 것이고, 이러한 계면활성제를 특정 범위에서 함유함으로써 감광성

수지층을 전사후에 컬러필터로서 이용했을 경우에, 액정표시장치의 표시 불균일이 개선된다.

또한, 하기 시판의 계면활성제를 그대로 사용할 수도 있다. 사용할 수 있는 시판의 계면활성제로서, 예컨대<167>

EFTOP  EF301,  EF303(Shin-Akita  Kasei  Co.,  Ltd.  제품), FLUORAD  FC430,  431(Sumitomo  3M  Limited  제품),

MEGAFAC  F171,  F173,  F176,  F189,  R08(Dainippon  Ink  and  Chemicals,  Inc.  제품), SURFLON  S-382,  SC101,

102, 103, 104, 105, 106(Asahi Glass Co., Ltd. 제품) 등의 불소계 계면활성제 또는 규소계 계면활성제를 열

거할 수 있다. 또한, 폴리실록산 폴리머 KP-341(Shin-Etsu  Chemical  Co.,  Ltd.  제품), TROYSOL  S-366(Troy

Chemical Corp. 제품)도 규소계 계면활성제로서 사용할 수 있다.

본 발명의 방법에 의해 전사재료를 제조하는 경우에는 전사시에 박리되는 가지지체 상에 배향막을 형성하고, 그<168>

위에 광학 이방성층 및 감광성 수지층을 형성하는 것이 바람직하다. 가지지체의 재료에 대해서는 특별히 제한하

지 않고, 폴리에틸렌 테레프탈레이트 등의 각종의 폴리머 필름을 이용할 수 있다. 가지지체의 박리성을 개선하

기 위해서 또는 전사를 용이하게 하기 위해서, 가지지체인 폴리머 필름과 배향막 사이에 열가소성 수지층이나

중간층 등을 형성해도 좋다.

다음에, 본 발명의 방법에 의해 제조가능한 광학보상필름, 편광판 및 전사재료의 몇 개의 형태에 대해서 설명한<169>

다.

[광학보상필름]<170>

도 4는 본 발명의 방법에 의해 제조된 광학보상필름의 일례의 개략 단면도이다. 도 4에 나타내는 광학보상필름<171>

은 투명 지지체(11) 상에 광학 이방성층(12)을 갖는다. 투명 지지체(11)와 경화한 광학 이방성층(12)의 사이에

는, 상기 공정(2)에 있어서 중합성 액정 화합물의 분자의 배향을 제어하고, 제 1 배향상태로 하는 것에 이용되

는 배향층(13)이 배치되어 있다. 광학 이방성층(12)의 광학 특성은 상기한 바와 같이, 정면 리타데이션(Re)이 0

이 아니고, 면내의 지상축을 경사 축(회전축)으로 하여 광학보상필름의 법선방향에 대하여 +40°경사진 방향으

로부터 파장 λnm의 광을 입사시켜서 측정한 리타데이션 치, 및 면내의 지상축을 경사 축(회전축)으로 하여 광

학보상필름의 법선방향에 대하여 -40°경사진 방향으로부터 파장 λnm의 광을 입사시켜서 측정한 리타데이션 치

가 실질적으로 동등하게 조정되어 있는, 소위 2축성 광학이방성이어도 좋다. 이러한 형태의 광학보상필름은 특

히 VA 모드의 액정셀의 광학보상에 유용하다.

상기 광학보상필름이 갖는 지지체는 투명한 것이 바람직하고, 구체적으로는 광투과율이 80% 이상인 폴리머 필름<172>

을 사용하는 것이 바람직하다. 지지체의 두께는 10~500㎛이 바람직하고, 20~200㎛이 보다 바람직하고, 35~110㎛

이 가장 바람직하다.

상기 지지체의 유리전이온도(Tg)는 사용 목적으로 따라서 적당하게 정해진다. 상기 수지의 유리전이온도는 바람<173>

직하게는 70℃ 이상, 더욱 바람직하게는 75~200℃, 특히 바람직하게는 80~180℃의 범위이다. 이 범위의 유리전

이온도를 갖는 수지를 채용하면, 내열성과 성형 가공성이 고도로 밸런스되어 바람직하다.

지지체의 Re는  -200~100nm의  범위로,  그리고 Rth는  -100~100nm의  범위로 조절하는 것이  바람직하다. Re는<174>

-50~30nm이 더욱 바람직하고, -30~20nm이 가장 바람직하다. 본 명세서에 있어서 음의 Re란 지지체 면내 지상축

이 필름 반송방향과 직교하는 방향(TD방향)에 있는 것을 가리키고, 음의 Rth란 두께방향의 굴절율이 면내 평균

굴절율보다도  큰  것을  가리킨다.  색미  개선을  위해서는  지지체의  면내  지상축이  TD방향에  있는  것이

바람직하다.

지지체를 구성하는 폴리머로는, 예컨대 셀룰로오스계 폴리머 및 시클로올레핀계 폴리머 등을 사용할 수 있고,<175>

구체적으로는 셀룰로오스 에스테르(예, 셀룰로오스 아세테이트, 셀룰로오스 프로피오네이트, 셀룰로오스 부티레

이트), 폴리올레핀(예, 노르보르넨계 폴리머), 폴리(메타)아크릴산 에스테르(예, 폴리메틸메타크릴레이트), 폴

리카보네이트, 폴리에스테르 및 폴리술폰, 노르보르넨계 폴리머를 사용할 수 있다. 저복굴절성의 관점에서는 셀

룰로오스 에스테르 및 노르보르넨계가 바람직하고, 시판의 노르보르넨계 폴리머로는 ARTON(JSR Corporation 제

품), ZEONEX,  ZEONOR(이상, Nippon Zeon Co., Ltd. 제품) 등을 사용할 수 있다.

특히, 지지체를 편광막의 보호필름으로서도 이용할 경우에는 셀룰로오스 에스테르가 바람직하고, 셀룰로오스의<176>

저급 지방산 에스테르가 더욱 바람직하다. 저급 지방산이란 탄소원자수가 6개 이하인 지방산을 의미한다. 탄소

원자수는 2개(셀룰로오스 아세테이트), 3개(셀룰로오스 프로피오네이트) 또는 4개(셀룰로오스 부티레이트)인 것

이 바람직하다. 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트나 셀룰로오스 아세테이트 부틸레이트와 같은 혼합 지방

산 에스테르를 사용해도 좋다. 셀룰로오스의 저급 지방산 에스테르 중에서는 셀룰로오스 아세테이트인 것이 가
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장 바람직하다. 셀룰로오스 에스테르의 아실기 치환도는 2.50~3.00인 것이 바람직하고, 2.75~2.95인 것이 더욱

바람직하고, 2.80~2.90인 것이 가장 바람직하다.

셀룰로오스  에스테르의  점도  평균  중합도(DP)는  250  이상인  것이  바람직하고,  290  이상인  것이  더욱<177>

바람직하다. 또한, 셀룰로오스 에스테르는 겔투과 크로마토그래피에 의한 Mm/Mn(Mm은 질량평균 분자량, Mn은 수

평균 분자량)의 분자량 분포가 좁은 것이 바람직하다. Mm/Mn의 치는 1.0~5.0인 것이 바람직하고, 1.3~3.0인 것

이 더욱 바람직하고, 1.4~2.0인 것이 가장 바람직하다.

셀룰로오스 에스테르에서는 셀룰로오스의 2위치, 3위치 및 6위치의 히드록실기가 균등하게 치환되지 않고 6위치<178>

의 치환도가 작아지는 경향이 있다. 본 발명에 있어서, 셀룰로오스 에스테르의 6위치 치환도는 2위치 및 3위치

와 같은 정도 또는 그 이상인 것이 바람직하다. 2위치, 3위치 및 6위치의 치환도의 합계에 대한 6위치 치환도의

비율은 30~40%인 것이 바람직하다. 6위치 치환도의 비율은 31% 이상, 특히 32% 이상인 것이 바람직하다. 6위치

의 치환도는 0.88 이상인 것이 바람직하다. 셀룰로오스의 6위치는 아세틸 이외에 탄소수 3개 이상의 아실기(예,

프로피오닐, 부티릴, 발레로일, 벤조일, 아크릴로일)로 치환되어 있어도 좋다. 각 위치의 치환도는 NMR에 의해

측정할 수  있다.  6위치 치환도가 높은 셀룰로오스 에스테르는 일본 특허공개 평11-5851호 공보의 단락번호

0043~0044에 기재된 합성예 1, 단락번호0048~0049에 기재된 합성예 2, 및 단락번호 0051~0052에 기재된 합성예

3을 참조해서 합성할 수 있다.

셀룰로오스 에스테르 필름에는 기계적 물성을 개량하기 위해서 또는 건조속도를 향상하기 위해서 가소제를 첨가<179>

할 수 있다. 가소제로는 인산 에스테르 또는 카르복실산 에스테르가 사용된다. 인산 에스테르의 예로는 트리페

닐포스페이트(TPP), 비페닐디페닐포스페이트 및 트리크레실포스페이트(TCP)가 포함된다. 카르복실산 에스테르로

는 프탈산 에스테르 및 시트르산 에스테르가 대표적이다. 프탈산 에스테르의 예로는 디메틸 프탈레이트(DMP),

디에틸 프탈레이트(DEP), 디부틸 프탈레이트(DBP), 디옥틸 프탈레이트(DOP), 디페닐 프탈레이트(DPP) 및 디에틸

헥실프탈레이트(DEHP)가 포함된다. 시트르산 에스테르의 예로는 O-아세틸시트르산 트리에틸(OACTE) 및 O-아세틸

시트르산 트리부틸(OACTB)이 포함된다. 그 밖의 카르복실산 에스테르의 예로는 올레산 부틸, 리시놀산 메틸아세

틸, 세바신산 디부틸, 각종의 트리멜리트산 에스테르가 포함된다. 프탈산 에스테르계 가소제(DMP, DEP,  DBP,

DOP, DPP, DEHP)가 바람직하게 사용된다. DEP 및 DPP이 특히 바람직하다. 가소제의 첨가량은 셀룰로오스 에스테

르의 양의 0.1~25질량%인 것이 바람직하고, 1~20질량%인 것이 더욱 바람직하고, 3~15질량%인 것이 가장 바람직

하다.

셀룰로오스  에스테르  필름에는  열화  방지제(예,  산화방지제,  과산화물  분해제,  라디칼  금지제,  금속<180>

불활성화제, 산포획제, 아민)를 첨가해도 좋다. 열화 방지제에 대해서는 일본 특허공개  평3-199201호, 동 5-

1907073호, 동 5-194789호, 동 5-271471호, 동 6-107854호의 각 공보에 기재되어 있다. 열화 방지제의 첨가량

은 조제하는 용액(도프)의 0.01~1질량%인 것이 바람직하고, 0.01~0.2질량%인 것이 더욱 바람직하다. 첨가량이

0.01질량% 미만이면, 열화 방지제의 효과가 거의 확인되지 않는다. 첨가량이 1질량%를 초과하면, 필름 표면으로

의 열화 방지제의 블리드아웃(배어 나옴)이 확인되는 경우가 있다. 특히 바람직한 열화 방지제의 예로는 부틸화

히드록시톨루엔(BHT), 트리벤질아민(TBA)을 열거할 수 있다. 또한, 라이트 파이핑(light piping) 방지에 극소량

의 염료를 첨가해도 좋다. 투과율의 관점에서는 파장 420nm의 광의 투과율이 50% 이상이 되도록 종류 및 양을

조정하는 것이 바람직하다. 염료의 첨가량으로는 0.01ppm~1ppm인 것이 바람직하다. 

셀룰로오스 에스테르 필름에는 Re나 Rth를 제어하기 위해서, 리타데이션 제어제를 첨가할 수 있다. 리타데이션<181>

제어제는  셀룰로오스 에스테르  100질량부에  대하여,  0.01~20질량부의  범위에서  사용하는 것이  바람직하고,

0.05~15질량부의 범위에서 사용하는 것이 더욱 바람직하고, O.1~10질량부의 범위에서 사용하는 것이 가장 바람

직하다. 2종류 이상의 리타데이션 제어제를 병용해도 좋다. 리타데이션 제어제에 대해서는 국제공개 WO01/88574

호, 국제공개 WO00/2619호의 각 팜플렛, 일본 특허공개 2000-111914호, 동 2000-275434호의 각 공보에 기재되

어 있다.

셀룰로오스 에스테르 필름은 셀룰로오스 에스테르 및 다른 성분을 함유하는 용액을 도프로서 사용하여, 솔벤트<182>

캐스트법에 의해 제조할 수 있다. 도프를 드럼 또는 밴드 상에 유연하고, 용매를 증발시켜서 필름을 형성할 수

있다. 유연전의 도프는 고형분량이 10~40질량%가 되도록 농도를 조정하는 것이 바람직하다. 고형분량은 18~35질

량%인 것이 더욱 바람직하다. 도프를 2층 이상 유연할 수도 있다. 드럼 또는 밴드의 표면은 경면상태로 피니시

하여 두는 것이 바람직하다. 솔벤트 캐스트법에 있어서의 유연 및 건조방법에 대해서는 미국특허 제2336310호,

동 2367603호, 동 2492078호, 동 2492977호, 동 2492978호, 동 2607704호, 동 2739069호, 동 2739070호, 영국

특허 640731호, 동 736892호의 각 명세서, 일본 특허공고 소45-4554호, 동 49-5614호, 일본 특허공개  소60-
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176834호, 동 60-203430호, 동 62-115035호의 각 공보에 기재되어 있다.

도프는 표면온도가 10℃ 이하의 드럼 또는 밴드 상에 유연하는 것이 바람직하다. 유연한 후 2초 이상 바람에 쐬<183>

어 건조하는 것이 바람직하다. 그리고, 얻어진 필름을 드럼 또는 밴드로부터 박리하고, 100~160℃에서 연차로

온도를 바꾼 고온풍으로 더 건조해서 잔류 용제를 증발시키는 방법(일본 특허공고 평5-17844호 공보 기재)을 채

용할 수 있다. 이 방법에 의하면, 유연으로부터 박리까지의 시간을 단축하는 것이 가능하다. 이 방법을 실시하

기 위해서는 유연시의 드럼 또는 밴드의 표면 온도에서 도프가 겔화하는 것이 필요하다. 복수의 셀룰로오스 에

스테르 용액을 유연하는 경우, 지지체의 진행방향으로 간격을 두고 형성한 복수의 유연구로부터 셀룰로오스 에

스테르를 함유하는 용액을 각각 유연시키고, 이들을 적층시키면서 필름을 제조해도 좋다(일본 특허공개 소61-

158414호, 일본 특허공개  평1-122419호, 및 동 11-198285호의 각 공보에 기재). 2개의 유염구로부터 셀룰로오

스 에스테르 용액을 유연함으로써 필름을 제조할 수도 있다(일본 특허공고 소60-27562호, 일본 특허공개  소61-

94724호,  동  61-947245호,  동  61-104813호,  동  61-158413호  및  일본 특허공개  평6-134933호의 각 공보에

기재). 고점도 셀룰로오스 에스테르 용액의 흐름을 저점도의 셀룰로오스 에스테르 용액으로 둘러싸서, 고점도

및 저점도의 셀룰로오스 에스테르 용액을 동시에 압출하는 셀룰로오스 에스테르 필름의 유연방법(일본 특허공개

소56-162617호 공보 기재)을 채용해도 좋다.

셀룰로오스 에스테르 필름은 더욱 연신처리에 의해 리타데이션을 더 조정할 수 있다. 연신배율은 3~100%의 범위<184>

에 있는 것이 바람직하다. 텐터연신이 바람직하다. 지상축을 고정밀도로 제어하기 위해서, 좌우의 텐터클립 속

도 및 이탈 타이밍의 차이를 가능한 한 작게 하는 것이 바람직하다. 연신처리에 대해서는 국제공개WO01/88574호

팜플렛의 37쪽 8행~38쪽 8행에 기재되어 있다.

셀룰로오스 에스테르 필름에는 표면처리를 실시할 수 있다. 표면처리로는 코로나 방전처리, 글로우 방전처리,<185>

화염처리, 산처리, 알칼리처리 및 자외선 조사처리가 열거된다. 필름의 평면성을 유지하는 관점에서, 표면처리

에 있어서 셀룰로오스 에스테르 필름의 온도를 Tg(유리전이온도) 이하, 구체적으로는 150℃ 이하로 하는 것이

바람직하다.

셀룰로오스 에스테르 필름의 두께는 제막에 의해 제조하는 경우에는 립 유량과 선속도, 또는 연신 또는 압축에<186>

의해 조정할 수 있다. 사용하는 주 소재에 따라 투습성이 다르기 때문에, 두께조정에 의해 편광판의 보호필름으

로서의 바람직한 투습성의 범위로 하는 것이 가능하다. 또한, 상기 셀룰로오스 에스테르 필름의 자유체적은 제

막에 의해 제조하는 경우에는 건조 온도와 시간에 의해 조정할 수 있다. 이 경우도 또한 사용하는 주 소재에 따

라 투습성이 다르기 때문에, 자유체적 조정에 의해 보호필름으로서 바람직한 투습성의 범위로 하는 것이 가능하

다. 셀룰로오스 에스테르 필름의 친소수성은 첨가제에 의해 조정할 수 있다. 자유체적 중에 친수적 첨가제를 첨

가함으로써 투습성은 높아지고, 반대로 소수성 첨가제를 첨가함으로써 투습성을 낮게 할 수 있다. 이와 같은 각

종의 방법에 의해, 셀룰로오스 에스테르 필름의 투습성을 조정함으로써 편광판의 보호필름으로서 바람직한 투습

성의 범위로 할 수 있고, 광학 이방성층의 지지체를 편광판의 보호필름으로 겸할 수 있어, 광학보상능을 갖는

편광판을 저렴하고 높은 생산성으로 제조할 수 있다.

[편광판]<187>

도 5(a)~(d)는 본 발명의 방법에 의해 제조된 광학필름을 구비한 편광판의 개략 단면도이다. 편광판은 일반적으<188>

로는 폴리비닐알콜 필름으로 이루어진 편광막을 요오드로 염색하고, 연신을 행함으로써 편광막(21)을 얻고, 그

양면에 보호필름(22 및 23)을 적층해서 제조할 수 있다. 광학 이방성층을 지지하는 폴리머 필름 등으로 이루어

진 지지체를 갖는 광학필름을 사용하면, 이 지지체를 보호필름(22 및 23) 중 적어도 하나로 그대로 사용할 수

있다. 이 때, 광학 이방성층(12)은 편광층(21)측에(즉, 광학 이방성층(12)이 지지체(11)보다 편광층(21)에 더

가까이) 배치되어 있어도, 편광층(21)과 반대측에(즉, 광학 이방성층(12)이 지지체(11)보다 편광층(21)에 더 멀

리) 배치되어 있어도 좋지만, 도 5(a)에 나타낸 것과 같이 광학 이방성층(12)은 편광층(21)과 반대측에 있는 것

이 바람직하다. 또한, 도 5(b)와 같이 편광층(21)의 한 쪽의 보호필름(22)의 외측에 점착제 등을 통해서 접합하

는 것도 가능하다.

도 5(c) 및 (d)은 도 5(a)에 나타낸 구성의 편광판에 다른 기능성층(24)을 더 배치한 편광판의 구성예이다. 도<189>

5(c)은 본 발명의 광학보상필름과 편광층(21)을 끼워서 반대측에 배치된 보호필름(23) 상에 다른 기능성층(24)

을 배치한 구성 예이며, 도 5(d)은 본 발명의 광학보상필름 상에 다른 기능성층(24)을 배치한 구성예이다. 다른

기능성층의 예로는 특별히 제한하지 않고, λ/4층, 반사 방지층, 하드코트층 등, 각종의 특성을 부여하는 기능

성 층이 열거된다. 이들 층은 λ/4판, 반사방지필름, 하드코트필름 등의 일부재로서, 예컨대 점착제에 의해 접

합하여도 좋고, 도 5(d)의 구성예에서는 본 발명의 광학보상필름(광학 이방성층(12)) 상에 다른 기능성층(24)을
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형성한 후, 편광층(21)과 접합하여 제조할 수도 있다. 또한, 본 발명의 광학보상필름과 반대측의 보호필름(23)

그 자체를 λ/4판, 반사방지필름, 하드코트 필름 등의 다른 기능성 필름으로 할 수도 있다.

편광막으로는 요오드계 편광막, 2색성 염료를 사용하는 염료계 편광막이나 폴리엔계 편광막이 열거된다. 요오드<190>

계 편광막 및 염료계 편광막은 일반적으로 폴리비닐알콜계 필름을 이용하여 제조한다. 보호필름의 종류는 특별

히 한정되지 않고, 셀룰로오스 아세테이트, 셀룰로오스 아세테이트 부티레이트, 셀룰로오스 프로피오네이트 등

의 셀룰로오스 에스테르류, 폴리카보네이트, 폴리올레핀, 폴리스티렌, 폴리에스테르 등을 사용할 수 있다. 투명

보호필름은 보통 롤형태로 공급되고, 장척의 편광막에 대하여 길이(MD)방향이 일치하도록 하여 연속해서 접합하

는 것이 바람직하다. 여기에서, 보호필름의 배향축(지상축)은 어느 방향이라도 좋다. 또한, 보호필름의 지상축

(배향축)과 편광막의 흡수축(연신축)의 각도도 특별한 한정은 없고, 편광판의 목적에 따라 적당하게 설정할 수

있다.

편광막과 보호필름은 수계 접착제로 접합해도 좋다. 수계 접착제 중의 접착제 용제는 보호필름 중을 확산함으로<191>

써 건조된다. 보호필름의 투습성이 높으면 높을 수록 건조가 빨라져서 생산성은 향상되지만, 지나치게 높아지면

액정표시장치의 사용 환경(고습하)에 의해, 수분이 편광막 중으로 들어감으로써 편광능이 저하한다. 광학보상필

름의 투습성은 폴리머 필름(및 중합성 액정 화합물)의 두께, 자유체적,또는 친소수성 등에 의해 결정된다. 편광

판의 보호필름의 투습성은 100~1000(g/㎡)/24hrs의 범위에 있는 것이 바람직하고, 300~700(g/㎡)/24hrs의 범위

에 있는 것이 더욱 바람직하다.

본 발명에서는 초박형화 등을 목적으로, 편광막의 보호필름 중 일측이 광학 이방성층의 지지체를 겸하고 있어도<192>

좋다. 광학보상필름과 편광막은 광학축의 어긋남 방지나 먼지 등의 이물의 침입 방지 등의 점으로부터, 고착처

리되어 있는 것이 바람직하다. 그 고착 적층에는, 예컨대 투명 접착층을 통한 접착방식 등의 적당한 방식을 적

용할 수 있다. 그 접착제 등의 종류에 대해서 특별하게 한정은 없고, 구성부재의 광학특성의 변화방지 등의 점

으로부터, 접착 처리시의 경화나 건조시에 고온의 프로세스를 요하지 않는 것이 바람직하고, 장시간의 경화처리

나 건조시간을 요하지 않는 것이 바람직하다. 이러한 관점에서, 친수성 폴리머계 접착제나 점착층이 바람직하게

사용된다.

편광막의 한면 또는 양면에 상기 보호필름에 준한 내수성 등의 각종 목적의 보호필름, 표면반사 방지 등을 목적<193>

으로 한 반사방지층 또는/및 방현 처리층 등의 적당한 기능층을 형성한 편광판을 사용해도 좋다. 상기 반사 방

지층은, 예컨대 불소계 폴리머 코트층이나 다층 금속 증착막 등의 광간섭성 막 등으로서 적당하게 형성할 수 있

다. 또한, 방현 처리층도 예컨대 미립자 함유 수지 도포층이나 엠보싱 가공, 샌드 블라스트 가공이나 에칭 가공

등의 적당한 방식으로 표면에 미세 요철구조를 부여하는 등에 의해 표면 반사광이 확산하는 적당한 방식으로 형

성할 수 있다.

또한, 상기 미립자로는, 예컨대 평균 입경이 0.5~20㎛인 실리카나 산화칼슘, 알루미나나 티타니아, 지르코니아<194>

나 산화주석, 산화인듐이나 산화카드뮴, 산화안티몬 등의 도전성도 있는 무기계 미립자나, 폴리메틸메타크릴레

이트나 폴리우레탄과 같은 적당한 폴리머로 이루어진 가교 또는 미가교의 유기계 미립자 등의 적당한 것을 1종

또는 2종 이상 사용할 수 있다. 또한, 상기한 접착층 또는 점착층은 이러한 미립자를 함유해서 광확산성을 나타

내는 것이어도 좋다.

본 발명의 편광판은 시판의 슈퍼하이 콘트라스트품(예컨대, Sanritsu Co., Ltd. 제품 HLC2-5618 등)과 동등 이<195>

상의 광학적 성질 및 내구성(단기, 장기에서의 보존성)을 갖는 것이 바람직하다. 구체적으로는 가시광선 투과율

이 42.5% 이상이고, 편광도√{(Tp-Tc)/(Tp+Tc)}≥0.9995(단, Tp는 평행 투과율, Tc는 직교 투과율)이고, 온도

60℃, 습도 90%RH 분위기 하에서 500시간, 및 80℃, 드라이분위기 하에 500시간 방치했을 경우의 그 전후에 있

어서의 광투과율의 변화율이 절대치에 기초하여 3% 이하, 또한 1% 이하, 편광도의 변화율은 절대치에 기초하여

1% 이하, 또한 0.1% 이하인 것이 바람직하다.

[전사재료]<196>

도 6(a)~(e)은 본 발명의 방법에 의해 제조된 광학필름 상에 감광성 수지층을 형성하여 제조한 본 발명의 전사<197>

재료의 개략 단면도이다. 본 발명의 전사재료는 지지체, 적어도 1층의 광학 이방성층, 및 적어도 1층의 감광성

수지층을 갖고, 적어도 상기 광학 이방성층 및 상기 감광성 수지층을 다른 기판 상에 전사하는 데에 사용되는

재료이다. 도 6(a)에 나타내는 본 발명의 전사재료는 투명 또는 불투명한 가지지체(11) 상에 광학 이방성층(1

2)과 감광성 수지층(14)을 갖는다. 본 발명의 전사재료는 다른 층을 갖고 있어도 좋고, 예컨대 도 6(b)에 나타

내듯이 가지지체(11)와 광학 이방성층(12) 사이에는 전사시에 상대 기판측의 요철을 흡수하기 위한 쿠션성과 같
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은 역학특성 컨트롤 또는 요철 추수성 부여를 위한 층(15)을 갖고 있어도 좋고, 또한 도 6(c)에 나타내듯이 광

학 이방성층(12) 중의 액정성 분자의 배향을 제어하기 위한 배향층으로서 기능하는 층(13)이 배치되어도 좋고,

또한 도 6(d)에 나타내듯이 양쪽의 층을 갖고 있어도 좋다. 또한, 도 6(e) 감광성 수지층의 표면보호 등의 목적

으로부터, 최표면에 박리가능한 보호층(16)을 형성해도 좋다. 

[액정표시장치용 피전사 기판]<198>

본 발명의 전사재료는 액정표시장치용 기판에 전사되어, 액정셀의 시야각 보상을 위한 광학 이방성층을 구성할<199>

수 있다. 또한, 컬러필터와의 조합에 의해 R, G, B의 색마다에 액정셀의 시야각 보상을 위한 광학 이방성층을

구성할 수 있다. 이러한 층이 전사된 기판은 액정셀의 한쌍의 기판의 어느 한쪽에 사용되어도 좋고, 양쪽에 사

용되어도 좋다. 도 7(a)에 본 발명의 전사재료에 의해 제조된 광학 이방성층을 갖는 기판의 일례의 개략 단면도

이다. 피전사 기판(30)으로는 투명하면 특별히 한정하지 않지만, 복굴절이 작은 것이 바람직하고, 유리나 저복

굴절성 폴리머 등이 사용된다. 기판 상에는 본 발명의 전사재료를 이용하여 형성된 광학 이방성 층(27)이 있고,

그 위에 블랙 매트릭스(29), 그 위에 컬러필터층(28)이 더 형성되어 있다. 도 7(a) 중에서는 생략하였지만, 광

학 이방성층(27)과 기판(30) 사이에는 전사재료 중의 구성층인 감광성 수지층이 배치되어 있어, 광학 이방성층

(27)과 기판(30)은 감광성 수지층을 통하여 접착되어 있다. 컬러필터층(28)의 그 위에는 투명 전극층(25), 그

위에는 액정셀 중의 액정분자를 배향시키기 위한 배향층(26)이 더 형성되어 있다. 본 발명의 전사재료를 이용해

서 광학 이방성층(27)을 기판(30) 상에 형성한 후에, 레지스트를 균일하게 도포하고, 그 후에 마스크 조사후 현

상에서 불필요부를 제거하는 방법에 의해 블랙 매트릭스(22) 및 컬러필터층(28)을 제조해도 좋고, 또한 최근 제

안되어 있는 인쇄 방식이나 잉크젯 방식을 이용해서 형성해도 좋다. 후자의 쪽이 비용면에서는 바람직하다.

도 7(b)에 본 발명의 전사재료에 의해 제조된 광학 이방성층을 갖는 컬러필터를 구비한 기판의 일례의 개략 단<200>

면도이다. 피전사 기판(30)으로는 투명한 기판이면 특별히 한정하지 않지만, 복굴절이 작은 기판이 바람직하고,

유리나 저복굴절성 폴리머 등이 사용된다. 기판 상에는 일반적으로 블랙 매트릭스(29)가 형성되고, 그 위에 본

발명의 전사재료로 전사한 후, 마스크 조사 등에 의해 패터닝된 감광성 수지층으로 이루어진 컬러 필터층(28)

및 광학 이방성층(27')이 형성되어 있다. 도 4에는 R, G, B의 컬러필터층(28)을 형성한 형태를 나타내었지만,

최근 잘 알려져 있듯이 R, G, B, W(백)의 층으로 이루어진 컬러필터층을 형성해도 좋다. 광학 이방성층(27')은

r, g, b 영역으로 분할되고, R, G, B 각각의 필터층(28)의 색에 대하여 각각 최적인 위상차 특성을 갖고 있다.

광학 이방성층(27') 상에는 전사재료로 전사된 다른 층이 있어도 좋지만, 액정셀 내에는 전혀 불순물이 혼입되

지 않도록 해야만 하기 때문에, 패터닝시의 현상, 세정 처리시에 제거되는 것이 바람직하다. 광학 이방성층

(27') 상에는 투명 전극층(25), 그 위에는 액정셀 중의 액정분자를 배향시키기 위한 배향층(26)이 더 형성되어

있다.

또한,  본  발명의  전사재료를  사용하고,  도  7(c)에  나타내듯이  하나의  기판  상에  본  발명의  전사재료를<201>

사용하는, 패터닝되어 있지 않은 솔리드 광학 이방성층(27)과 패터닝된 광학 이방성층(27')의 2개를 형성해도

좋다. 또한, 도면은 생략하지만, 본 발명의 전사재료를 사용하는, 액정셀의 한 쌍의 대향기판의 일측 기판에 솔

리드 광학 이방성층(27)을 형성하고, 타측의 기판에 패터닝된 광학 이방성층(27')을 컬러필터층(28)과 함께 형

성해도 좋다. 한 쌍의 대향 기판측의 일측에는 일반적으로 TFT 어레이 등의 구동용 전극이 배치되어 있는 것이

많고, 구동용 전극 상에 솔리드 광학 이방성층(27)을 형성해도 좋고, 구동용 전극 상에 패터닝된 광학 이방성층

(27')을 컬러필터층(28)과 함께 형성해도 좋다. 광학 이방성층은 기판 상이면 어느 위치에 형성되어도 좋지만,

TFT를 갖는 액티브 구동형의 경우 광학 이방성층의 내열성 때문에 실리콘층보다도 위에 형성되는 것이 바람직하

다.

본 발명의 전사재료를 사용함으로써, 1회의 전사-조사-현상 프로세스로, 1색의 컬러필터와 이것에 대응한 광학<202>

이방성층이 동시에 형성가능하므로, 일본 특허공개 평3-282404호 공보에 기재되어 있는 것과 같은 컬러필터 제

조공정의 경우와 동일한 공정수로, 액정표시장치의 시야각 특성을 개량할 수 있다.

[액정표시장치]<203>

도 8은 본 발명의 편광판을 사용한 액정표시장치의 일례이다. 액정표시장치는 상하의 전극 기판간에 네마틱 액<204>

정을 끼워서 이루어진 액정셀(55), 및 액정셀의 양측에 배치된 한 쌍의 편광판(56 및 57)을 갖고 있고, 편광판

중 적어도 일측에는 도 5에 나타낸 본 발명의 편광판을 사용하고 있다. 본 발명의 편광판을 사용할 때에는 광학

이방성층이 편광층과 액정셀의 전극기판의 사이에 위치하도록 배치할 수 있다. 네마틱 액정분자는 전극기판 상

에 실시된 배향층 및 그 표면의 러빙처리 또는 립 등의 구조물을 형성함으로써, 소정의 배향상태가 되도록 제어

되고 있다.

- 27 -

공개특허 10-2008-0018853



편광판에 끼워진 액정셀의 하측에는 휘도향상필름이나 확산필름과 같은 조광필름(54)을 1장 이상 갖고 있어도<205>

좋다. 또한, 조광필름의 하측에는 냉음극관(51)으로부터 나온 광을 정면에 조사하기 위한 반사판(52)과 도광판

(53)을 갖고 있다. 이 냉음극관과 도광판으로 이루어진 백라이트 유닛 대신에, 최근에는 냉음극관을 액정셀의

아래에 수개 배열한 직하형 백라이트나, 광원으로서 LED를 사용한 LED 백라이트 또는 유기 EL, 무기 EL 등을 이

용하여 면발광시키는 백라이트도 사용되고 있고, 본 발명에서도 사용할 수 있다.

또한, 도면에는 나타내지 않았지만, 반사형 액정표시장치의 형태에서는 편광판은 관찰측에 1장 배치하는 것만으<206>

로 좋고, 액정셀의 배면 또는 액정셀의 하측기판의 내면에 반사막을 형성한다. 물론, 상기 광원을 사용한 프론

트 라이트를 액정셀 관찰측에 설치하는 것도 가능하다. 또한, 표시장치의 1화소 내에 투과부와 반사부를 형성한

반투과형도 가능하다.

도 9는 본 발명의 전사재료를 사용한 액정표시장치의 일례의 개략 단면도이다. 도 9(a)~(c)의 예는 각각 도<207>

7(a)~(c)의 유리기판을 상측 기판으로서 사용하는, 32로 나타내는 TFT 부착 유리기판을 대향기판으로 하여 사이

에 액정(31)을 끼운 액정셀(37)을 사용한 액정표시장치이다. 액정셀(37)의 양측에는 2장의 셀룰로오스 에스테르

필름(34, 35)에 끼워진 편광층(33)으로 이루어진 편광판(36)이 배치되어 있다. 액정셀측의 셀룰로오스 에스테르

필름(35)으로서, 광학보상에 기여하는 광학필름을 사용해도 좋고, 34와 같이 보호필름으로서의 기능만이어도 좋

다. 도면에는 나타내지 않았지만, 반사형 액정표시장치의 형태에서는 편광판은 관찰측에 1장 배치한 것만으로도

좋고, 액정셀의 배면 또는 액정셀의 하측 기판의 내면에 반사막을 형성한다. 물론, 프론트 라이트를 액정셀 관

찰측에 설치하는 것도 가능하다. 또한, 표시장치의 1화소 내에 투과부와 반사부를 형성한 반투과형도 가능하다.

본 액정표시장치의 표시모드는 특별한 제한은 없고, 모두 투과형 및 반사형 액정표시장치에 사용하는 것이 가능

하다. VA 모드, STN 모드, TN 모드, OCB 모드 등의 액정표시장치에 이용할 수 있다. 그 중에서도 색시야각 특성

개량이 기대되는 VA 모드에 대하여, 본 발명은 효과를 발휘한다.

VA 모드의 액정셀은 대향면이 러빙처리된 후 하부 기판 사이에 유전 이방성이 음의 액정성 분자를 봉입하여 이<208>

루어진다. 예컨대, Δn=0.0813, 및 Δε=-4.6 정도의 액정분자를 사용하고, 액정분자의 배향방향을 나타내는 디

렉터, 소위 틸트각이 약 89°인 액정셀을 제조할 수 있다. 이 때, 액정층의 두께 d는 3.5㎛ 정도로 할 수 있다.

액정층의 두께 d(nm)와 굴절율 이방성 Δn의 곱 Δn·d의 크기에 의해 백색표시 시의 밝기가 변화한다. 최대 밝

기를 얻기 위해서는 액정층의 두께 d는 2~5㎛(2000~500Onm)의 범위인 것이 바람직하고, Δn은 O.060~0.085의 범

위이다.

액정셀 상하부 기판의 내측에는 투명전극이 형성되지만, 전극에 구동 전압을 인가하지 않는 비구동 상태에서는<209>

액정층 중의 액정분자는 기판면에 대하여 대략 수직으로 배향하고, 그 결과 액정 패널을 통과하는 광의 편광상

태는  거의  변화하지  않는다.  액정셀의  상측  편광판의  흡수축과  하측  편광판의  흡수축은  대략  직교하여

있으므로, 광은 편광판을 통과하지 않는다. 즉, VA 모드의 액정표시장치에서는 비구동 상태에 있어서 이상적인

흑색 표시를 실현할 수 있다. 이에 반하여, 구동 상태에서는 액정분자는 기판면에 평행한 방향으로 경사져서,

액정 패널을 통과하는 광은 경사한 액정분자에 의해 편광상태를 변화시켜 편광판을 통과한다.

여기까지는, 상하 기판 사이에 전계가 인가되기 때문에, 전계방향에 수직하게 액정분자가 응답하는 유전율 이방<210>

성이 음인 액정재료를 사용한 예를 나타내었지만, 전극을 일측 기판에 배치하여 전계가 기판면에 평행한 횡방향

으로 인가되는 경우에는 액정재료는 양의 유전율 이방성을 갖는 것을 사용할 수도 있다.

VA 모드의 특징은 고속 응답인 것 및 콘트라스트가 높은 것이다. 그러나, 콘트라스트는 정면에서는 높지만 경사<211>

방향에서는 저하한다고 하는 문제가 있다. 흑색 표시 시에 액정성 분자는 기판면에 수직하게 배향하여 있기 때

문에, 정면으로부터 관찰하면 액정분자의 복굴절은 거의 없으므로 투과율이 낮아서, 고콘트라스트가 얻어진다.

그러나, 비스듬하게 관찰한 경우에는 액정성 분자에 복굴절이 생긴다. 또한, 상하의 편광판 흡수축의 교차각은

정면에서는 90°의 직교이지만, 비스듬하게 본 경우에는 90°보다 커진다. 이 2개의 요인 때문에 경사방향에서

는 누출광이 생기기 쉬워져, 콘트라스트가 저하하는 경향이 있다. 본 발명에서는 본 발명의 광학보상필름을 액

정셀과 편광판 사이에 배치함으로써, 본 발명의 편광판을 사용함으로써, 또/또는 본 발명의 전사재료로부터 전

사된 광학 이방성층을 적어도 1층 포함(바람직하게는 액정셀 내에 포함)함으로써, 이 문제를 해결할 수 있다.

VA 모드에서는 백색표시 시에는 액정성 분자가 경사져 있지만, 경사방향과 그 역방향에서는 비스듬하게 관찰했<212>

을 때의 액정성 분자의 복굴절의 크기가 달라져서, 휘도나 색조에 차이가 생긴다. 이것을 해결하기 위해서는 액

정셀을 멀티 도메인으로 하는 것이 바람직하다. 멀티 도메인이란 1개의 화소 중에 배향상태가 다른 복수의 영역

을 형성한 구조를 한다. 예컨대, 멀티 도메인 방식의 VA 모드의 액정셀에서는 1개의 화소중에 전계 인가시의 액

정성 분자의 경사각이 서로 다른 복수 영역이 존재한다. 멀티 도메인 방식의 VA 모드 액정셀에서는 전계 인가에
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의한 액정성 분자의 경사각을 화소 마다 평균화할 수 있고, 이것에 의해서 시각 특성을 평균화할 수 있다. 1 화

소내에서 배향을 분할하기 위해서는 전극에 슬릿을 형성하거나, 돌기를 형성하거나, 전계 방향을 바꾸거나, 전

계 밀도에 편재를 갖게 하거나 함으로써 달성할 수 있다. 전체 방향에 균등한 시야각를 얻기 위해서는 이 분할

수를 많게 하면 좋지만, 백색표시 시의 투과율이 감소해 버리기 때문에 4분할이 바람직하다.

VA 모드의 액정표시장치에서는 Twised Nematic 모드(TN 모드)의 액정표시장치에서 일반적으로 사용되고 있는 카<213>

이랄제의 첨가는 동적 응답특성을 열화시키기 때문에 사용하는 경우는 적지만, 배향불량을 저감시키기 위해서

첨가되는 경우도 있다. 배향 분할의 영역 경계에서는 액정분자가 응답하기 어렵다. 이 때문에, 노말리블랙 표시

에서는 흑색 표시가 유지되기 때문에, 휘도저하가 문제가 된다. 액정재료에 카이랄제를 첨가하는 것은 경계 영

역을 작게 하는 것에 기여한다.

실시예<214>

이하에, 실시예를 들어서 본 발명을 더욱 구체적으로 설명한다. 이하의 실시예에 나타내는 재료, 시약, 물질량<215>

과 그 비율, 조작 등은 본 발명의 취지로부터 일탈하지 않는 한 적당하게 변경될 수 있다. 따라서, 본 발명의

범위는 이하의 구체예에 제한되는 것은 아니다.

[실시예 1~5 및 비교예 1: 광학필름의 제조]<216>

(투명 지지체 S-1의 제조)<217>

시판의 셀룰로오스 아세테이트 필름인 Fujitac TD80UF(FujiFilm Corporation 제품, Re=3nm, Rth=50nm)을 투명<218>

지지체 S-1로서 사용하였다.

(배향층용 도포액 AL-1의 조제) <219>

하기 조성물을 조제하고, 구멍 직경 30㎛의 폴리프로필렌제 필터로 여과하고, 배향층용 도포액 AL-1로서 사용하<220>

였다. 변성 폴리비닐알콜은 일본 특허공개  평9-152509호 공보 기재의 것을 사용하였다.

 배향층용 도포액 조성(질량%)   <221>

 변성 폴리비닐알콜 AL-1-1                    4.01

 물             72.89

 메탄올             22.83

 글루타르알데히드(가교제)                    0.20

 시트르산             0.008

 시트르산  모노에틸에스테르             0.029

 시트르산  디에틸에스테르                    0.027

 시트르산  트리에틸에스테르                    0.006

<222>

(중간층/배향층용 도포액 AL-2의 조제) <223>

하기 조성물을 조제하고, 구멍 직경 30㎛의 폴리프로필렌제 필터로 여과하여 박리용 중간층/배향층용 도포액<224>

AL-2로서 사용하였다.

 중간층/배향층용 도포액 조성(질량%)<225>

 폴리비닐알콜(PVA205, Kuraray Co., Ltd. 제품)                      3.21

 폴리비닐피롤리돈(Luvitec K30, BASF Japan Ltd. 제품)               1.48

 증류수                                                            52.1

 메탄올                                                            43.21
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(광학 이방성층용 도포액 LC-1의 조제) <226>

하기 표에 나타내는 조성물을 조제후, 구멍 직경 0.2㎛의 폴리프로필렌제 필터로 여과하여 광학 이방성층용 도<227>

포액 LC-1로서 사용하였다. 표중, LC242는 로드형상 액정(중합성 액정, Paliocolor LC242, BASF Japan Ltd.),

LC756은 카이랄제(Paliocolor LC756, BASF Japan Ltd.), 2색성 광중합 개시제 LC-1-1은 EP1388538 A1, page 21

에 기재된 방법에 의해 합성하였다. 수평 배향제 LC-1-2은 Tetrahedron Lett. 지, 제43권, 6793쪽(2002)에 기

재된 방법에 준하여 합성하였다.

 광학 이방성층용 도포액 조성(질량%)<228>

 로드형상 액정(Paliocolor LC242, BASF Japan Ltd.)                  33.37

 카이랄제(Paliocolor LC756, BASF Japan Ltd.)                      3.10

 광중합 개시제(LC-1-1)                                            1.55

 LC-1-2                                                           0.08

 디아족시디아니솔                                               0.50

 메틸에틸케톤                                                    61.40

<229>

(열가소성 수지층용 도포액 CU-1의 조제) <230>

하기 조성물을 조제하고, 구멍 직경 30㎛의 폴리프로필렌제 필터로 여과하여, 열가소성 수지층용 도포액 CU-1로<231>

서 사용하였다. 

열가소성 수지층용 도포액 조성(질량%)<232>

메틸 메타크릴레이트/2-에틸헥실 아크릴레이트/

벤질메타크릴레이트/메타크릴산 공중합체

(공중합 조성비(몰비)=55/30/10/5, 

중량평균 분자량=10만, Tg≒70℃)                                      5.89

스티렌/아크릴산 공중합체

(공중합 조성비(몰비)=65/35, 

중량평균 분자량=1만, Tg≒100℃)                                     13.74

BPE-500(Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd. 제품)                       9.20

Megafac F-780-F(Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated 제품)       0.55

메탄올                                                              11.22

프로필렌글리콜 모노메틸에테르 아세테이트                             6.43

메틸에틸케톤                                                        52.97
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(감광성 수지층용 도포액 PP-1의 조제) <233>

하기 조성물을 조제후, 구멍 직경 0.2㎛의 폴리프로필렌제 필터로 여과하여, 감광성 수지층용 도포액 PP-1로서<234>

사용하였다. 

감광성 수지층용 도포액 조성(질량%)<235>

벤질메타크릴레이트/메타크릴산=72/28몰비의 랜덤 공중합물

(중량평균 분자량 3.7만)                                                   5.0

벤질메타크릴레이트/메타크릴산=78/22몰비의 랜덤 공중합물

(중량평균 분자량 4.0만)                                                   2.45

KAYARAD DPHA(Nippon Kayaku Co., Ltd. 제품)                                3.2

라디칼 중합 개시제

(Irgacure907, Ciba Specialty Chemicals Corporation  제품)                 0.75

증감제(Kayacure DETX, Nippon Kayaku Co., Ltd. 제품)                       0.25

양이온 중합 개시제

(디페닐요오드늄헥사플루오로포스페이트, 

Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. 제품)                                   0.1

프로필렌글리콜 모노메틸에테르 아세테이트                                  27.0

메틸에틸케톤                                                              53.0 

시클로헥사논                                                              9.1

Megafac F-176PF(Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated 제품)            0.05 

(셀룰로오스 에스테르 필름의 편면 비누화 처리)<236>

셀룰로오스 에스테르 필름을 온도 60℃의 유전식 가열롤에 통과시켜, 필름 표면온도를 40℃로 승온한 후에, 하<237>

기에 나타내는 조성의 알칼리 용액을 바코터를 이용하여 14㎖/㎡로 도포하였다. 그리고, 110℃로 가열한 스팀식

원적외선 히터(Noritake Company, Inc. 제품) 하에 10초간 체류시킨 후에, 동일한 바코터를 이용하여 순수를 3

㎖/㎡ 도포하였다. 이 때의 필름 온도는 40℃이었다. 이어서, 파운텐 코터에 의한 수세와 에어나이프에 의한 절

수를 3회 되풀이한 후, 70℃의 건조 r구역에 2초간 체류시켜서 건조하였다.

(편광 UV 조사장치 POLUV-1, POLUV-2)<238>

도 10에 나타낸 바와 같이 자외선 광원으로서 350~400nm로 강한 발광 스펙트럼을 갖는 D-Bulb를 탑재한 마이크<239>

로웨이브 발광방식의 자외선 조사장치(Light Hammer 10, 240W/cm, Fusion UV Systems사 제품)(9)를 광원 유닛

으로서 사용하고, 조사면에서 4cm 떨어진 위치에 파장선택 필터(4)(단파장 커트필터, LU0350,  Asahi  Spectra

CO., LTD. 제품)를 조사면에서 3cm 떨어진 위치에, 와이어 그리드 편광필터(6)(ProFlux PPL02(고투과율 타입),

Moxtek Inc. 제품)을 조사면에서 2.5cm 떨어진 위치에 50mm×50mm의 알루미늄판을 2장 사용해서 애퍼쳐(5)를 형

성해서 편광 UV조사장치 POLUV-1을 제조하였다. 또한, POLUV-1의 와이어 그리드 편광필터를 유전체 미러(초광대

역 유전체 평면 미러, TFMS-50C08-4/11, SIGMA KOKI CO., LTD. 제품)로 한 편광 UV 조사장치 POLUV-2를 제조하

였다.

(조사량 및 조도의 측정)<240>

표 1에 나타내는 조건에서, 실시예 1, 2, 및 비교예 1~4의 편광 자외선 조사를 각각 실시하였다. <241>

또한, 조도 측정 및 소광비 측정에는 조도계(UVPF-A1, Eye Graphics Co., Japan 제품), 편광자 및 검광자에는<242>

와이어 그리드 편광 필터(ProFlux PPL02(고투과율 타입), Moxtek Inc. 제품을 사용하였다.

투명 지지체 S-1의 편면을 상술한 편면 비누화 처리법을 사용해서 비누화 처리한 후, 그 위에 배향층용 도포액<243>

AL-1을 #14의 와이어 바코터로 도포하고, 60℃의 온풍에서 60초, 90℃의 온풍에서 150초 더 건조해서 두께 1.0

㎛의 배향층을 형성하였다. 계속해서, 형성한 배향층을 투명 지지체의 반송방향(MD방향)에 대하여 러빙처리한

후, 그 위에 광학 이방성층용 도포액 LC-1을 #7의 와이어 바코터로 도포하고, 막면온도(적외 방사 온도계 IT2-

01(Keyence Corporation 제품)에 의해 측정. 이하 동일)가 95℃에서 2분간 가열건조 숙성해서 균일한 액정상을

갖는 광학 이방성층을 형성하였다. 또한, 숙성후 즉시, 광학 이방성층에 대하여 막면온도 80℃, 산소농도 0.3%

이하의 질소분위기 하에서 편광 UV 조사장치 POLUV-1 및 POLUV-2를 이용하여 표 1에 나타내는 조건에서 편광 자
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외선을 조사하여, 실시예 1, 2 및 비교예 1~4의 광학필름을 제조하였다. 편광 자외선 조사시의 지지체의 반송속

도는 5m/분으로 하였다. 광학이방층은 고정화 후 승온해도 액정성을 나타내지 않았다.

또한, LC-1 중에 사용된 로드형상 액정(Paliocolor LC242, BASF Japan Ltd.)의 등방 상전이온도는 100.2℃이었<244>

다.

표 1

<245> 편광자외선의 종류 슬릿폭

(도 1 중의 8)

1 이상 8 이하의

소광비가 차지하는 비율

지지체 5m/분 반송시에
서의 조사량

mm % mJ/㎠

실시예 1

실시예 2

실시예 3

실시예 4

실시예 5

비교예 1

POLUV-1

POLUV-1

POLUV-1

POLUV-1

POLUV-2

POLUV-1

60

40

20

10

40

90

13

7

5

5

5

17

322

276

173

91

50

345

표 1에 나타낸 바와 같이, 슬릿폭을 조정함으로써 소광비가 낮은(1 이상 8 이하) 광이 시료에 조사되는 것을 막<246>

을 수 있어, 본 발명의 방법을 실시가능하다. 또한, 표 1에 나타내는 결과로부터, 상기한 바와 같이 슬릿폭을

좁혀 가면, 조도가 저하하여 시료에 조사되는 조사량이 작아지지만, 반송속도 등을 조정함으로써 충분한 강도를

갖는 광학 이방성층을 형성가능한 조사량으로 할 수 있다. 

또한, 비교예 2의 유전체 미러 편광자에 대해서는 일본 특허공표 2002-512850호 공보에 기재되어 있는 바와 같<247>

이, 광의 이용효율이 나쁘기 때문에 조사량이 와이어 그리드 편광자에 비교해서 낮은 것도 표 1로부터 이해할

수 있다. 

(위상차 측정)<248>

KOBRA 21ADH(Oji Scientific Instruments 제품)에 의해, 589nm에서의 정면 리타데이션 Re 및 지상축을 회전축<249>

으로 하여 ±40°샘플을 경사시켰을 때의 리타데이션 Re(40), Re(-40)를 측정하였다. 광학이방층의 위상차는 각

각도에 있어서의 광학보상필름 전체의 위상차로부터 각 각도에서의 지지체의 위상차를 뺌으로써 구하였다.

(내찰상성 시험)<250>

러빙 테스터를 사용하여 이하의 조건에서 러빙 테스트를 행하였다.<251>

평가환경 조건: 25℃, 60%RH<252>

러빙재: 시료와 접촉하는 테스터의 러빙 선단부(1cm×1cm)에 Dusper(Ozu Corporation 제품)을 감고, 움직이지<253>

않도록 밴드고정하였다.

이동거리(편도): 10cm, 러빙 속도: 13cm/초, 하중: 500g/㎠, 선단부 접촉면적: 1cm×1cm, 러빙 회수: 50회 왕<254>

복.

러빙을 종료한 시료의 이편에 유성 흑색 잉크를 칠하고, 반사광에서 목시 관찰하여 러빙 부분의 상처를 이하의<255>

기준으로 평가하였다.

◎: 매우 주의깊게 보아도 전혀 상처가 보이지 않음.<256>

○: 매우 주의깊게 보면 약간 약한 상처가 보임.<257>

△: 약간 약한 상처가 보임.<258>

×: 상처가 보임.<259>

(면형상 평가)<260>

샤커스텐(schaukasten) 상에, 크로스 니콜의 편광판 사이에 광학필름을 배치하고, 액정의 배향을 확인하였다.<261>

○: 전면 배향하고 있음.<262>
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△: 부분적으로 배향이 흐트러져 있음.<263>

×: 전면적으로 배향이 흐트러져 있음.<264>

[실시예 1 및 2과 비교예 1의 비교]<265>

실시예 1, 2 및 비교예 1의 위상차 측정, 면형상 평가, 대찰상성 시험 결과를 표 2에 나타낸다.<266>

표 2

<267> Re0 Re(40) Re(-40) 면형상 러빙시험

nm nm nm - -

실시예 1

실시예 2

비교예 1

59.2

59.4

58.8

103.4

104.5

105.0

105.2

106.1

106.1

○

○

○

○

○

○

 <268>

표 2에 나타내는 바와 같이, 비교예 1에 비해서 실시예 1 및 2의 광학 이방성층의 Re0의 치는 높고, 바람직한<269>

광학특성을 나타내었다. 본 발명의 범위인 실시예 1 및 2의 조건에서 편광 자외선 조사를 행하면, 상기 편광 자

외선 조사 시에 2색성 중합 개시제로부터의 라디칼 발생이 국재화하여 중합이 국소적으로 진행되었기 때문에,

콜레스테릭 배향의 왜곡이 충분해져서 바람직한 광학특성이 얻어지는 것으로 생각된다.

[실시예 1~5의 비교(조사량)] <270>

다음에, 상기와 같은 방법으로 실시예 3~5에 대해서, 면형상 평가 및 러빙 시험을 실시하였다. 이하의 표 3에<271>

실시예 1 및 2의 결과와 함께 나타낸다.

표 3

<272> 면형상 러빙시험

- -

실시예 1

실시예 2

실시예 3

실시예 4

실시예 5

○

○

○

○

△

○

○

△

△

×

실시예 3~5는 소광비가 1 이상 8 이하의 성분의 비율이 5%이고, 편광 자외선 조사로서는 바람직하지만, 슬릿폭<273>

을  좁게  했기  때문에  조사량이  불충분해지고,  그  결과  광학  이방성층의  강도가  실시예  1  및  2보다도

열화하였다. 특히, 실시예 5는 광의 이용효율이 나쁜 유전체 미러 편광자를 이용하고 있기 때문에, 조사량이 더

욱 낮고, 강도가 저하하여 있는 것을 이해할 수 있다.

또한, 표 3에는 나타내지 않지만, 실시예 3~5에서 형성한 광학 이방성층의 광학특성(Re0, Re(40) 및 Re(-40))을<274>

각각 측정했지만, 실시예 1 및 2에서 형성한 광학 이방성층의 광학특성의 쪽이 우수하였지만, 반송속도를 느리

게 함으로써 실시예 1 및 2과 비교해서 동등의 광학특성을 나타내는 광학 이방성층을 형성할 수 있었다. 

[실시예 6~9의 비교(막면온도)]<275>

광학 이방성층용 도포액을 도포해서 형성한 도막의 막면온도를 표 4에 나타내는 조건으로 유지하고, 표 1의 실<276>

시예 2에 나타내는 편광 UV를 조사하였다(실시예 6~9). 막면온도 이외의 조건은 실시예 2와 동일하게 하였다.

형성한 광학 이방성층에 대해서 상기와 마찬가지로 면상시험을 실시하였다. 결과를 표 4에 나타낸다.

표 4

<277> 지지체 막면온도 면형상

℃
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실시예 6

실시예 2

실시예 7

실시예 8

실시예 9

90

80

60

25

50

○

○

△

×

×

표 4에 나타내는 바와 같이, 편광 UV 조사시의 막면온도가 낮아지면 배향이 흐트러지는 경향이 있어, 양호한 면<278>

상을 얻기 위해서는 사용한 액정 화합물의 등방 상전이온도에 가까운 온도인 것이 바람직한 것을 이해할 수 있

다.

또한, 표 4에는 나타내지 않지만, 실시예 6~9에서 형성한 광학 이방성층의 광학특성(Re0, Re(40) 및 Re(-40))을<279>

각각 측정했지만, 실시예 6에서 형성한 광학 이방성층은 실시예 2에서 형성한 광학 이방성층과 마찬가지로 광학

특성이 우수하였지만, 실시예 8 및 9에서 형성한 광학 이방성층의 광학특성은 실시예 2와 비교해서 열화하였다.

따라서, 바람직한 광학특성을 얻는 관점에서도, 막면온도를 등방 상전이온도에 가까운 온도로 편광 자외선 조사

를 실시하는 것이 바람직한 것을 이해할 수 있다.

[실시예 10~15의 비교(후처리 광조사)]<280>

표 5에 나타내는 조사조건을 이용하여 표 6에 나타내는 조합으로 자외선 조사를 실시하였다. 자외선 UV 조사조<281>

건을 하기 조사조건 A 또는 B로 대신하여 조사를 복수회 행하고, 후처리 광조사를 하기 조사조건 C로 행하는

등, 편광 UV 조사조건을 대신한 이외는 실시예 1과 동일한 조건에서 광학 이방성층을 형성하였다.

표 5

<282> 편광 1 이상 8 이하의 소광비가 차지
하는 비율

조사량 반송속도

% mJ/㎠ m/min

조사조건A

조사조건B

조사조건C

있음

있음

없슴

7

7

-

150

75

350

10

20

5

표 6

<283> 1회째 조사 2회째 조사

실시예 10

실시예 11

실시예 12

실시예 13

실시예 14

실시예 15

실시예 1

실시예 2

조사조건 A

조사조건 B

조사조건 A

조사조건 B

조사조건 C

조사조건 C

조사조건 C

조사조건 C

-

-

상기와 같은 방법으로, 광학특성, 면형상 평가 및 러빙 시험을 행하였다. 결과를 이하의 표 7에 나타낸다.<284>

표 7

<285> Re0(nm) Re(40)(nm) Re(-40)(nm) 면형상 러빙 시험

실시예 10

실시예 11

실시예 12

실시예 13

실시예 14

실시예 15

59.4

61.8

52.2

45.3

37.4

34.0

102.3

109.9

96.4

83.4

78.0

72.3

105.7

107.8

98.0

82.2

78.8

72.9 

○

○

○

○

△

△

◎

◎

○

○

△

×

표 7에 나타내는 바와 같이, 편광 UV 조사후에 비편광 UV를 조사함으로써 배향 및 경막이 개선되는 것을 알 수<286>
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있다. 또한, 놀랍게도 본 실시예에서는 위상차에 대해서도 개선 경향이 있었다.

[실시예 16: 광학보상필름을 갖는 편광판의 제조]<287>

상기에서  제조한  실시예  1의  광학필름  및  시판의  Fujitac  TD80UF(FujiFilm  Corporation  제품,  Re=3nm,<288>

Rth=50nm)을 1.5몰/L의 수산화 나트륨 수용액에 55℃에서 2분간 침지하였다. 계속해서 실온의 수세 욕조 중에서

세정하고, 30℃에서 0.05몰/L의 황산을 이용하여 중화하였다. 이것을 다시 실온의 수세 욕조 중에서 세정하고,

100℃의 온풍에서 더 건조하였다. 그 후, 수세, 중화처리를 행하고, 이 2장의 비누화 피니쉬한 필름을 편광판의

보호막으로서 편광막의 양면에 폴리비닐알콜계 접착제를 이용하여 롤·투·롤로 접착시켜 일체형 편광판을 제조

하였다.

[실시예 17: VA-LCD 액정표시장치의 제조과 평가]<289>

시판의 VA-LCD(SyncMaster 173P, Samsung Electronics Co., Ltd. 제품)의 상하측 편광판을 박리하고, 상측에는<290>

일반적인 편광판을, 하측에는 상기 실시예 16에서 제조한 실시예 1의 광학필름을 갖는 편광판을 광학 이방성층

이 액정셀 기판 유리면이 되도록 점착제로 접합시켜서 본 발명의 액정표시장치를 제조하였다. 제조한 액정표시

장치의 단면 개략도를 각 층의 광학적 축의 각도 관계와 함께 도 11에 나타낸다. 도 11 중, 41은 편광층, 42는

투명  지지체,  43은  배향층,  44는  광학  이방성층(42~44는  실시예  1에서  제조된  광학필름),  45는  편광판

보호필름, 46은 액정셀용 유리기판, 47은 액정셀 및 48은 점착제층이다. 또한, 편광층(41) 중의 화살표는 흡수

축의 방향을, 광학 이방성층(44)이나 그 지지체(44) 및 보호필름(45) 중의 화살표는 지상축의 방향을 나타내고,

환형 표시는 화살표가 지면에 대한 법선방향인 것을 나타낸다.

(VA-LCD 액정표시장치의 평가)<291>

제조한 액정표시장치의 시야각 특성을 시야각 측정장치(EZ Contrast 160D, ELDIM 제품)로 측정하였다. 또한, 특<292>

히 기울기 45°방향에 대해서 목시로도 평가하였다. 실시예 2의  EZ  Contrast에  의한 콘트라스트 특성을 도

12에, 목시 평가 결과를 이하에 나타낸다.

시료<293> 목시평가 결과

실시예 17 백색 표시, 흑색 표시 모두 색불균일이 적고, 중간조의 계조특성이 양호하였다.

[실시예 18: 전사재료의 제조]<294>

실시예 1과 같은 방법으로 광학필름을 제조하였다. 단, 실시예 1에서 사용한 투명 지지체 S-1 대신에, 두께 75<295>

㎛의 롤형상 폴리에틸렌 테레프탈레이트 필름 가지지체 상에 슬릿형상 노즐을 이용하여 열가소성 수지층용 도포

액 CU-1을 도포, 건조해서 형성한 열가소성 수지층(막두께는 14.6㎛)을 형성한 것을 사용하고, 또한 배향층은

중간층/배향층용 도포액 AL-2을 도포, 건조시켜서 형성(배향층의 막두께는 1.6㎛)하였다. 그 이외는, 실시예 1

과 완전히 동일한 조건에서, 광학 이방성층을 형성하여 광학필름을 제조하였다. 다음에, 형성한 광학 이방성층

의 표면에 감광성 수지 조성물 PP-1을 도포, 건조시켜서, 감광성 수지층을 형성하고, 본 발명의 감광성 수지 전

사재료를 제조하였다.

상기 감광성 수지 전사재료를 라미네이터(Hitachi Industries  Co.,  Ltd.  제품(LamicII형))을 사용하여, 상기<296>

100℃에서 2분간 가열한 기판 표면에 감광성 수지층을 기판 표면측으로 하여 포개고, 고무롤러 온도 130℃, 선

압 100N/cm, 반송속도 2.2m/분으로 라미네이트하고, 가지지체를 박리 후, 초고압 수은등으로 노광량50mJ/㎠에서

전면 노광하였다. 240℃에서 2시간 더 베이크하여 VA-LCD용 유리기판을 제조하였다. 

이어서, FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT No.44(1999)의 25쪽에 기재된 트랜서 시스템(FujiFilm Corporation<297>

제품)을 사용하여, 상기 유리기판 상에 블랙 매트릭스 및 R, G, B의 컬러필터를 형성하였다.

(투명전극의 형성)<298>

상기에서 제조한 컬러필터 상에 투명 전극막을 ITO의 스퍼터링에 의해 형성하였다.<299>

(돌기용 감광성 전사재료의 제조)<300>

두께 75㎛의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 필름 가지지체 상에 열가소성 수지층용 도포액 TP-1을 도포, 건조시켜,<301>

건조 막두께가 15㎛인 열가소성 수지층을 형성하였다.

다음에, 상기 열가소성 수지층 상에 중간층/배향층용 도포액 AL-2을 도포, 건조시켜, 건조 막두께가 1.6㎛인 중<302>
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간층을 형성하였다.

상기 중간층 상에 하기 처방으로 이루어진 도포액을 도포, 건조시켜, 건조 막두께가 2.0㎛인 액정배향 제어용<303>

돌기용 감광성 수지층을 형성하였다.

돌기용 도포액 조성(%)<304>

FH-2413F(FUJIFILM Arch Co., Ltd. 제품)

메틸에틸케톤

Megafac F-176PF

53.3

46.66

0.04

또한, 상기 감광성 수지층 표면에 두께 12㎛의 폴리프로필렌제의 필름을 커버필름으로서 부착하고, 가지지체 상<305>

에 열가소성 수지층, 중간층, 감광성 수지층, 커버필름이 이 순서로 적층된 전사재료를 제조하였다.

(돌기의 형성)<306>

상기에서 제조한 돌기용 전사재료로부터 커버필름을 박리하고, 그 감광성 수지층의 표면과 상기 컬러필터측 기<307>

판의 ITO막이 형성된 측의 표면을 포개고, 라미네이터(Hitachi Industries Co., Ltd.제(LamicII형))를 이용하

여 선압 100N/cm, 온도 130℃, 반송속도 2.2m/분의 조건하에서 접합하였다. 그 후, 전사재료의 가지지체만을 열

가소성  수지층과의  계면에서  박리하여  제거하였다.  이  상태에서는  컬러필터측  기판  상에  감광성  수지층,

중간층, 열가소성 수지층이 이 순서로 적층되어 있다.

다음에, 최외층인 열가소성 수지층의 상방에 포토마스크가 감광성 수지층의 표면으로부터 1OO㎛의 거리가 되도<308>

록 프록시미티-노광기를 배치하고, 상기 포토마스크를 통해서 초고압 수은등에 의해 조사 에너지 70mJ/㎠로 프

록시미티-노광하였다. 그 후, 1% 트리에탄올아민 수용액을 샤워식 현상장치에서 30℃에서 30초간 기판에 분무하

여, 열가소성 수지층 및 중간층을 용해하여 제거하였다. 이 단계에서는 감광성 수지층은 실질적으로 현상되어

있지 않았다. 

계속해서, 0.085몰/L의 탄산나트륨과 0.085몰/L의 탄산수소나트륨과 1%의 디부틸나프탈렌술폰산 나트륨 수용액<309>

을 샤워식 현상장치에서 33℃에서 30초간 기판에 분무하면서 현상하여, 감광성 수지층의 불필요부(미경화부)를

현상제거하였다. 그러자, 컬러필터측 기판 상에 소망의 형상으로 패터닝된 감광성 수지층으로 이루어진 돌기가

형성되었다. 이어서, 상기 돌기가 형성된 컬러필터측 기판을 240℃ 하에서 50분 베이크함으로써, 컬러필터측 기

판 상에 높이 1.5㎛, 종단면 형상이 반원통형의 액정배향 제어용 돌기를 형성할 수 있었다.

(배향층의 형성)<310>

또한 그 위에 폴리이미드의 배향막을 더 형성하였다. 컬러필터의 화소군의 주위에 형성된 블랙 매트릭스의 외부<311>

프레임에 해당하는 위치에, 스페이서 입자를 함유하는 에폭시 수지의 밀봉제를 인쇄하고, 컬러필터 기판을 대향

기판과 1Okg/cm의 압력으로 접합하였다. 이어서, 접합된 유리기판을 150℃, 90분에서 열처리하여 밀봉제를 경화

시켜, 2장의 유리기판의 적층체를 얻었다. 이 유리기판 적층체를 진공상태에서 탈기하고, 그 후 대기압으로 되

돌려서 2장의 유리기판의 간극에 액정을 주입하여 액정셀을 얻었다. 이 액정셀의 양면에 Sanritsu Corp. 제품의

편광판 HLC2-2518을 부착하였다. 

(VA-LCD의 제조)<312>

컬러 액정표시장치용 냉음극관 백라이트로는 BaMg2Al16O27:Eu,Mn과, LaPO4:Ce,Tb를 질량비 50:50으로 혼합한 형광<313>

체를 녹색(G), Y2O3:Eu를 적색(R), BaMgAl10O17:Eu를 청색(B)로 하여, 임의의 색조를 가지는 백색의 삼파장 형광

램프를 제조하였다. 이 백라이트 상에, 상기에서 편광판을 접착한 액정셀을 설치하여 VA-LCD를 제조하였다. 

(VA-LCD의 평가)<314>

제조한 액정표시장치의 흑색 표시(전압 무인가) 시에 있어서의 LCD의 특히 코너에 있어서의 광누설에 대해서,<315>

우선 실온조건에서 목시 관찰한 후, 40℃, 90%RH의 항온·항습조건에서 48시간 정치한 후, 다시 관찰하였다. 결

과를 이하에 나타낸다.

시료<316> 목시 평가 결과

실시예 18 흑색 표시는 거의 변화가 없고, 코너에 현저한 광누설이 보이지 않았다. 
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        산업이용 가능성

본 발명에 의하면, 편광 자외선 조사공정을 포함하는 광학필름의 제조방법에 있어서, 양호한 광학특성 및 막강<317>

도를 나타내는 광학필름을 높은 생산성으로 제조가능한 방법을 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치의 시야각 특성의 개선에 기여하는 광학필<318>

름을 연속적으로, 결함없이 또는 적게, 또한 안정적으로 제조가능한 방법을 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 이러한 광학필름을 갖고, 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치의 일부재로서<319>

사용가능한 편광판, 및 액정셀 내에 광학 이방성층을 간이하게 형성가능하게 하는 전사재료를 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 액정셀이 정확하게 광학적으로 보상되고, 또한 박층화가 가능하고, 시야각 특성이 양<320>

호한 액정표시장치, 특히 VA 모드의 액정표시장치를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 있어서의 편광 자외선 조사장치의 일례의 개략도이다.<321>

도 2는 실시예 1에 있어서의 반송방향에 대한 조도의 분포이다.<322>

도 3은 실시예 1에 있어서의 반송방향에 대한 소광비의 분포이다.<323>

도 4는 본 발명의 광학보상필름의 일례의 개략 단면도이다.<324>

도 5는 본 발명의 편광판의 예의 개략 단면도이다.<325>

도 6은 본 발명의 전사재료의 예의 개략 단면도이다.<326>

도 7은 본 발명의 전사재료를 이용하여 제조된 액정셀용 기판의 예의 개략 단면도이다.<327>

도 8은 본 발명의 액정표시장치의 일례의 개략 단면도이다.<328>

도 9는 본 발명의 전사재료로부터 전사된 광학 이방성층을 포함하는 액정표시장치의 예의 개략 단면도이다.<329>

도 10은 실시예 1에서 사용한 편광 자외선 조사장치의 개략도이다.<330>

도 11은 실시예 5에서 제조한 액정표시장치의 층구성을 층중의 광학축의 방향과 함께 나타낸 개략 단면도이다.<331>

도 12는 실시예 5에서 제조한 액정표시장치의 콘트라스트 특성을 도시한 도면이다.<332>

*** 도면의 주요 부분에 대한 간단한 설명 ***<333>

1: 반사경 2: 로드형상 자외선 램프<334>

3: 광의 방향을 조정하는 광학부품 4: 파장선택 필터<335>

5: 소광비가 낮은 광을 차광하는 애퍼쳐 6: 편광자<336>

7: 조사면 8: 슬릿폭<337>

9: 광원 램프 유닛 11: 지지체 <338>

12: 광학 이방성층 13: 배향층 <339>

14: 감광성 수지층 15: 쿠션층<340>

16: 보호층 21: 편광층(편광막)<341>

22, 23: 보호필름 <342>

24: λ/4판, 반사 방지막 등의 기능성층<343>

25: 투명 전극층 26: 배향층<344>

27: 광학보상층 27': 패터닝된 광학보상층<345>

28: 컬러필터층 29: 블랙 매트릭스층<346>
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30: 지지체(피전사체이기도 함) 31: 액정층<347>

32: TFT층 33: 편광층<348>

34: 보호필름 <349>

35: 보호필름(광학보상필름인 경우도 있음)<350>

36: 편광판 37: 액정셀<351>

41: 편광층 42: 투명 지지체<352>

43: 배향층 44: 광학 이방성층 <353>

45: 편광판 보호필름 46: 액정셀용 유리기판<354>

47: 액정셀 48: 점착제<355>

51: 냉음극관 52: 반사시트<356>

53: 도광판 <357>

54: 휘도향상필름, 확산필름 등의 조광필름<358>

55: 액정셀 56: 하측 편광판 <359>

57: 상측 편광판 <360>

도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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